MARSZALEK WOJEWODZTWA OPOLSKIEGO

DOS-RPS.7222.54.2022.AKa Opole, dnia 05 kwietnia 2023  roku

Decyzja

Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 188 ust. 1, ust. 2, ust. 2b, ust. 3, ust.
5, art. 201 ust. 1, art. 202 ust. 1, ust. 4, art. 204 ust. 1, art. 211 ust. 1, ust. 6, art. 224 i art. 378 ust.
2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 z
pdin. zm.), zwanej dalej ustawag Po$ oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z2022 r., poz. 2000 z pdzniejszymi zmianami), po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 lipca 2022 r. bez numeru Pana Marka Benedykcifiskiego —
petnomocnika Oras Olesno Sp. z 0.0. w Oles$nie, o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji
do powierzchniowej obrébki metali lub materiatéw z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem
procesow elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie catkowita pojemno$é wanien przekracza 30 m3,
zlokalizowanej na terenie Oras Olesno Sp. z 0.0. w Olesnie przy ul. Lesnej 2

orzekam

udzieli¢ Oras Olesno Sp. z 0. o. w Olesnie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do
powierzchniowej obrébki metali z wykorzystaniem proceséw chemicznych i elektrolitycznych,
gdzie catkowita pojemnosé wanien procesowych wynosi 63,08 m3, zlokalizowanych na terenie
Spotki w Olesnie przy ul. Lesnej 2, na warunkach okreslonych w niniejszej decyzji:

I. Rodzaj prowadzonej dziatalnosci oraz parametry instalacji istotne z punktu widzenia
przeciwdziatania zanieczyszczeniom

I.1. Rodzaj prowadzonej dziatalnosci

Przedmiotem dziatalnosci zaktadu Oras Olesno Sp. z 0.0. w Olesnie jest produkcja baterii
tazienkowych i kuchennych z mosigdzu. Proces technologiczny polegajacy na wytopie i obrébce
mosigdzu jest prowadzony w instalacji do wtérnego wytopu, zlokalizowanej na terenie zakfadu
Oras Olesno Sp. z 0.0. w Olesnie (instalacja objeta jest odrebnym pozwoleniem zintegrowanym).

Na terenie zaktadu eksploatowana jest takze instalacja (objeta niniejsza decyzjg) do obrobki
metali inaktadania powtok (niklowej ichromowej) na metale z zastosowaniem procesow
elektrolitycznych i chemicznych, gdzie catkowita objeto$¢ wanien procesowych wynosi 63,08 m3 i
wanien do ptukania wodg o fgcznej pojemnosci 67,07 m3 wraz z instalacjg do oczyszczania Sciekow
przemystowych integralnie powigzang z instalacjg do powierzchniowej obrébki metali.

Teren zaktadu Oras Olesno Sp. z 0.0. w Olesnie obejmuje dziatki: 509, 510, 522, 525, 529, 530,
k.m. 24. Nowa instalacja do powierzchniowej obrébki potozona jest na dziatkach nr 509 i 510,
obreb Olesno.
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I.2. Rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziatania zanieczyszczeniom

Do instalacji wymagajacej uzyskania pozwolenia zintegrowanego zaliczono instalacje do

powierzchniowej obrébki metali sktadajacg sie z:

a) linii do pokrywania galwanicznego, o tgcznej pojemnosci wanien procesowych 59,73 m3
i wanien do ptukania wodg o pojemnosci 62,97 m3;

b) linii do Sciggania powtoki niklowej i chromowej wadliwie natozonych w procesie pokrywania
galwanicznego, o tgcznej pojemnosci wanien procesowych 3,350 m3i wanien do ptukania woda
o pojemnosci 4,10 m3;

oraz powigzang technologicznie zaktadowa oczyszczalnie $ciekéw technologicznych.

Instalacja powierzchniowej obrébki metali oraz powigzana technologicznie zaktadowa
oczyszczalnia $ciekdw zlokalizowana jest w budynku w nowej hali galwanizerni, w ktorej
zainstalowany jest podposadzkowy system do gromadzenia ewentualnych wyciekéw Sciekéw
przemystowych, substancji chemicznych z odprowadzeniem do zaktadowej oczyszczalni Sciekéw
przemystowych.

Wokdét wanny pod linig galwanicznego pokrywania zaprojektowane zostato odwodnienie
liniowe oraz zamontowano 10 szt. wpustéw podtogowych w celu utrzymania czystosci posadzek
na hali i na ciggach komunikacyjnych. Zebrane w studzience zbiorczej nieczystosci i ewentualne
wycieki zostang drogg napowietrzng przepompowane do zaktadowej oczyszczani sciekdw.
Wanna pod linig galwaniczng podzielona jest na 2 czesci, z podziatem na $cieki zawierajgce chrom
(V1) i pozostate. W kazdej z nich znajduje sie punkt wychwytowy, celem wychwytywania
ewentualnych wyciekdw, ktére zostang odprowadzone do zaktadowej oczyszczalni Sciekow.

W wannie pod oczyszczalnia $ciekéw zabudowano 7 wpustéw podtogowych do
wychwytywanych ewentualnych wyciekéw, ktére zostang odprowadzone do oczyszczalni
Sciekow.

Linia pokrywania galwanicznego

Technologia pokrywania polerowanych mosieznych detali armatury tazienkowej sktada sie

z dwéch gtéwnych etapow:
— przygotowania powierzchni;
— nakfadania na detale powtoki niklu oraz chromu.

Powtoki chromowe i niklowe nie spetniajagce wymogdw jakosciowych beda kierowane do linii
zdejmowania w celu ich ponownego zawrdcenia po oczyszczeniu do ponownego procesu
naktadania powtok.

W czasie kazdego z etapdw, zarowno chemicznego przygotowania powierzchni mosigdzu, jak
i naktadania powtok elektrochemicznych, wykorzystywane sg specjalistyczne dodatki
umozliwiajgce uzyskanie wymaganych witasciwosci powtok. Caty proces przeprowadzany jest
w odpowiednich wannach linii galwanicznej, sterowanej komputerowo, wyposazonej
w oprzyrzgdowanie umozliwiajgce utrzymanie wtasciwych parametréw procesu.

Do pokrywania galwanicznego przeznaczone s3 elementy mosiezne, przygotowane
odpowiednio we wczesniejszych etapach procesu obrébki odlewniczej, mechanicznej, szlifierskiej
i polerskiej. Jakos¢ detali musi by¢ wyjgtkowo dobra, pozbawiona wad powierzchniowych takich
jak: wtracenia, otwory, rysy.

Waznym etapem przed rozpoczeciem produkcji jest kontrola jakosciowa surowych odlewdw,
Nastepnie wypolerowane detale umieszcza sie recznie na zawieszkach wykonanych z dobrze
przewodzacych prad materiatéw, zabezpieczonych przed dziataniem agresywnych czynnikéw
chemicznych specjalnym materiatem ochronnym. Po zapetnieniu wszystkich wolnych miejsc na



zawieszce, komputer sterujgcy wybiera odpowiedni program galwanizowania, a nastepnie

transporter przenosi zawieszki z detalami w sposéb automatyczny do magazynu przed

galwanizowaniem. Od tego momentu proces przebiega w petni automatycznie, tj. zawieszki

z detalami przenoszone sy automatycznie zgodnie z przebiegiem procesu technologicznego za

pomocg transporteréw i umieszczane w odpowiednich wannach galwanicznych.

W pierwszym etapie tzw. przygotowania powierzchni mosigdz jest poddawany obrdébce
chemicznej i elektrochemicznej w czasie ktérej, z powierzchni usuwane sg pozostatosci z piasku
odlewniczego oraz past polerskich. Powierzchnia detali mosieznych jest aktywowana, aby
umozliwi¢ pdzniejsze elektrochemiczne osadzanie powiok metalowych. Etap ten obejmuje
nastepujgce operacje:

— trawienie detali w kwasie siarkowym z dodatkiem Uniclean 51 part | i Uniclean 501 part Il, co
utatwia usuwanie pozostatosci piasku odlewniczego z wnetrza detali. Proces prowadzony jest
w temperaturze okoto 40°C;

— odttuszczanie ultradzwiekami z dodatkiem srodkéw chemicznych Uniclean 158 lub Uniclean
107 lub Uniclean 110 oraz $rodka Uniclean 415 poprawiajgcego skutecznos¢ mycia. W
procesie tym zmiekcza sie resztki pasty polerskiej znajdujgcej sie na powierzchni detali.
Dziatanie chemiczne dodatkéw wzmacnia sie przy uzyciu ultradzwiekéw. Jest to jeden z
wazniejszych krokéw procesu przygotowania powierzchni, od ktérego zalezy jakosc
naktadanych podziniej warstw metalicznych. Proces odttuszczania prowadzony jest w
temperaturze okoto 70 °C;

— odttuszczanie z dodatkiem srodkéw chemicznych Uniclean 158 lub Uniclean 107 lub Uniclean
110 oraz srodka Uniclean 444 poprawiajgcego skutecznos¢ mycia. Proces wspomagany jest
urzadzeniem o nazwie hydroson, gdzie zwiekszona jest intensywnos¢ mycia wewnatrz detali
pozostatosci piasku polerskiego. Obecne na powierzchni mosigdzu resztki pasty polerskiej sg
zmydlane i w nastepujgcych po tym procesie ptuczkach utwardzane w postaci filmu
hydrofobowych mydet. Utworzenie filmu mydet umozliwia skuteczne ich usuniecie
z powierzchni w nastepnym procesie. Proces odttuszczania przebiega w temperaturze okoto
70 °C;

— usuwanie powitoki — polegajgce na usunieciu filmu zmydlonej pasty polerskiej
z wykorzystaniem preparatu Uniclean 251. Proces przebiega w temperaturze okoto 55 °C;

— odttuszczanie elektrochemiczne anodowe polega na usuwaniu filmu zmydlonej pasty
polerskiej, ktory prowadzony jest z dodatkiem $rodka Uniclean 251. W procesie tym
powierzchnia detalu jest dodatkowo myta i aktywowana poprzez wydzielajacy sie tlen
z procesu elektrolizy. Proces przebiega w temperaturze okoto 55 °C;

— aktywacja powierzchni mosigdzu w kapieli kwasnej z dodatkiem srodka Uniclean 650.

Pomiedzy wszystkimi powyzszymi procesami chemicznymi lub elektrochemicznymi pierwszego
etapu przygotowania powierzchni nastepujg ptukania, czesto kilkukrotne. Jakos¢ ptukania
odgrywa znaczacg role w uzyskiwaniu wolnych od brakéw powtok.

W drugim etapie na aktywng powierzchnie detali mosieznych naktadane sg elektrochemicznie
powtoki metali, ktére nadajg detalom wymagany wyglad, kolor oraz wtasciwosci fizykochemiczne.

W pierwszej kolejnosci detale s3 poddawane chromowaniu poprzez elektrochemiczny proces
aktywacji detali przed chromowaniem dekoracyjnym opartym na technologii chromu
sze$ciowartosciowego. Proces ma na celu aktywacje powierzchni pokrywanych detali
posiadajgcych powtoke niklowa, aby nastepna nanoszona powifoka miata odpowiednia
przyczepnos¢ do podtoza. Nastepnie detale poddawane s3g elektrochemicznemu procesowi
chromowania dekoracyjnego, ktéry operaty jest na technologii chromu szesciowartosciowego.



Proces ma na celu nanoszenie cienkiej powtoki chromowej (min. 0,3 mm) na wstepnie osadzong
dekoracyjng powtoke niklu btyszczgcego. Ze wzgledu na podatnos¢ podtoza do pasywacji
niezbedne jest naniesienie powtoki chromowej, zwiekszajgcej odpornosc podtoza na zarysowania
i wykazujacej wiekszg twardos¢, co jednoczesnie zwieksza parametry ochronne pokrywanych
korpuséw. W sktad kapieli wchodza: bezwodnik kwasu chromowego (ktéry w srodowisku
kwasnym przeksztatca sie w postac dichromianu — gtéwnego sktadnika kapieli, DC Additive i DC
Additive 2 — substancji wspomagajgcych proces chromowania, niezbedne do jego prawidtowego
funkcjonowania, ktére petnig role katalizatora i zwilzacza, Fumetrol 21 dziata jako $rodek
spieniajgcy uniemozliwiajacy wydostawanie sie z kapieli oparéw kwasu chromowego poprzez
tworzenie na powierzchni kapieli piany oraz kwas siarkowy VI spetniajgcy role katalizatora.
W ostatniej czesci procesu detale poddawane sg neutralizacji w celu usuniecia resztek
bezwodnika kwasu chromowego. Korpusy po chromowaniu dekoracyjnym sg zanieczyszczone
chromem szesciowarto$ciowym. W celu jego catkowitego usuniecia konieczne jest
przeprowadzenie reakcji redukcji chromu szesciowartosciowego do chromu tréjwartosciowego,
ktora przeprowadza sie w kapieli zawierajacej czynniki redukujgce pirosiarczyn sodu i Neolink
Reducer. Aby uzyskac petng skutecznos¢ konieczne jest zachowanie kwasnego srodowiska reakgcji
pH ok. 2.

Pomiedzy wszystkimi procesami drugiego etapu nastepujg ptukania. Ostatnim procesem jest
suszenie pokrytych detali. Polega na przeprowadzeniu operacji technologicznej, majacej na celu
zredukowanie zawartosci wody w pokrytych produktach. Proces polega na automatycznym
umieszczeniu w wannowej komorze suszgcej detali na zawieszkach. Czas i temperatura suszenia
dobierane sg beda w zaleznosci od ztozonosci i potrzeb pokrywanych detali. Przewidywany czas
suszenia wynosi maksymalnie 18 minut, przewidywana temperatura suszenia od 60° do 90 °C.

Zestawienie wanien galwanicznych procesowych oraz pomocniczych:

Tabelanr1
Temperatura
Lp. Numer Rodzaj procesu Pojemnos¢ Sktadniki kapieli i rodzaj _ procesu _ Typ éciekow
wanny wanny [m3] wody i czas trwania
procesu
1. 107 Trawienie 2,894 Uniclean 501 Part [; Temperatura ZKK -
Uniclean 501 Part Il; ok. 40 °C koncentraty
H,S0,; Czas: 1 minuta | kwasne
Woda demineralizowa
2. 108 Ptuczka 1,929 Woda Temperatura ZP — ptuczki
kaskadowa otoczenia kwasno-
Czas: 0,5 alkaliczne
minuty
3. 109 Ptuczka 1,977 Woda Temperatura ZP — ptuczki
kaskadowa PP z otoczenia kwasno-
natryskiem Czas: 0,5 alkaliczne
minuty
4, 110 Ptuczka 2,348 Woda Temperatura ZP — ptuczki
kaskadowa PP z otoczenia kwasno-
natryskiem Czas: 0,5 alkaliczne
minuty
5. 111 Odttuszczanie 3,897 Uniclean 158 lub; Temperatura ZKA —
ultradzwiekami Uniclean 107 lub; ok.70°C koncentraty
Uniclean 110; Czas: 6 minut alkaliczne
Uniclean 415,
Woda demineralizowana
6. 112 Odttuszczanie 3,897 Uniclean 158 lub; Temperatura ZKA —




ultradzwiekami Uniclean 107 lub; ok. 70 °C koncentraty
Uniclean 110; Czas: 6 minut alkaliczne
Uniclean 415,
Woda demineralizowana
7. 113 Ptukanie 2,547 Woda Temperatura ZP — ptuczki
przeptywowe otoczenia kwasno-
Czas: 0,5 alkaliczne
minuty
8. 114 Odttuszczanie 4,245 Uniclean 158 lub; Temperatura ZKA —
Uniclean 107 lub; ok. 70 °C koncentraty
Uniclean 110; Czas: 3,5 alkaliczne
Uniclean 444; minuty
Woda demineralizowana
9. 115 Ptuczka 1,929 Woda Temperatura ZP — ptuczki
kaskadowa otoczenia kwasno-
Czas: 0,5 alkaliczne
minuty
10. 116 Ptuczka 1,977 Woda Temperatura ZP — ptuczki
kaskadowa PP z otoczenia kwasno —
natryskiem Czas: 0,5 alkaliczne
minuty
11. 117 Ptuczka 2,348 Woda Temperatura ZP — ptuczki
kaskadowa PP z otoczenia kwasno-
natryskiem Czas: 0,5 alkaliczne
minuty
12. 118 Usuwanie powtoki | 3,280 Uniclean 251; Temperatura ZKA —
tzw. ,filmu” Woda demineralizowana ok. 50 Czas: koncentraty
2,5 minuty alkaliczne
13. 119 Ptuczka 2,293 Woda Temperatura ZP — ptuczki
kaskadowa PP z otoczenia kwasno-
natryskiem Czas: 0,5 alkaliczne
minuty
14. 120 Ptuczka 2,348 Woda Temperatura ZP — ptuczki
kaskadowa PP z otoczenia kwasno-
natryskiem Czas: 0,5 alkaliczne
minuty
15. 121 Odttuszczanie 4,438 Uniclean 251; Temperatura ZKA —
elektrochemiczne Woda demineralizowana ok. 55 °C Czas: | koncentraty
anodowe 1 minuta alkaliczne
16. 122 Ptuczka 1,929 Woda Temperatura ZP — ptuczki
kaskadowa otoczenia kwasno-
Czas: 0,5 alkaliczne
minuty
17. 123 Ptuczka 1,977 Woda Temperatura ZP — ptuczki
kaskadowa PP z otoczenia kwasno-
natryskiem Czas: 0,5 alkaliczne
minuty
18. 124 Ptuczka 2,348 Woda Temperatura ZP — ptuczki
kaskadowa PP z otoczenia kwasno-
natryskiem Czas: 0,5 alkaliczne
minuty
19. 125 Dekapowanie 1,929 Uniclean 650; Temperatura ZKK —
Woda demineralizowana otoczenia koncentraty
Czas: 1,5 kwasne
minuty
20. 126 Ptuczka 1,929 Woda demineralizowana Temperatura ZP — ptuczki
kaskadowa otoczenia kwasno-
Czas: 0,5 alkaliczne




minuty

21. 127 Ptuczka 1,977 Woda demineralizowana Temperatura ZP — ptuczki
kaskadowa PP z otoczenia kwasno-
natryskiem Czas: 0,5 alkaliczne

minuty

22. 128 Ptuczka 2,348 Woda demineralizowana Temperatura ZP — ptuczki
kaskadowa PP z otoczenia kwasno-
natryskiem Czas: 0,5 alkaliczne

minuty

23. 129-130 | Niklowanie 7,923 NiSOy; Temperatura ZKN —kapiele

NiCl,x6H,0; ok. 55°C Czas: | niklowe
H3BOy; 21-26 minut
Ni Brightenes Correction
Solution;
Supremem Plus Brightener;
Supreme Plus Leveller;
Nickel Additive SAK;
Wetting Agent NPA;
Wettiing Agent NIM;
Black Label Max 6;
LCD Corrector Ni;
Woda demineralizowana
24. 131-132 | Niklowanie 7,923 NiSOy; Temperatura ZKN — kapiele
NiCl,x6H,0; ok. 55°C Czas: | niklowe
H3BOy; 21-26 minut
Ni Brightenes Correction
Solution;
Supremem Plus Brightener;
Supreme Plus Leveller;
Nickel Additive SAK;
Wetting Agent NPA;
Wettiing Agent NIM;
Black Label Max 6;
LCD Corrector Ni;
Woda demineralizowana

25. 133 Ptukanie z 1,929 Woda demineralizowana Temperatura ZP — ptuczki
optukaniem otoczenia kwasno-
statycznym Czas: 0,5 alkaliczne

minuty

26. 134 Ptuczka 1,929 Woda Temperatura ZP — ptuczki
kaskadowa otoczenia kwasno-

Czas: 0,5 alkaliczne
minuty

27. 135 Ptuczka 2,024 Woda Temperatura ZP — ptuczki
kaskadowa PP z otoczenia kwasno-
natryskiem Czas: 0,5 alkaliczne

minuty

28. 136 Stanowisko - - Temperatura
konserwacji anod otoczenia

29. 147 Chromowanie 3,087 CrOg; Temperatura ZKC —

Cr Activator Additive; otoczenia koncentraty
Woda demineralizowana Czas: 0,5 zawierajace
minuty chrom

30. 148 Chromowanie 4,608 CrOs; Temperatura ZKC —
dekoracyjne DC Additive; ok. 42 °C Czas: | koncentraty

DC Additive 2; 5 minut zawierajace
Fumetrol 21; chrom
H,SOq;




Woda demineralizowana

31. 149 Ptukanie z 1,929 Woda demineralizowana Temperatura ZPC — ptuczki
optukaniem otoczenia zawierajace
statycznym Czas: 1 minuta | chrom

32. 150 Ptuczka 1929 Woda demineralizowana Temperatura ZPC — ptuczki
kaskadowa otoczenia zawierajace

Czas: 1 minuta | chrom

33. 151 Ptuczka 1,977 Woda demineralizowana Temperatura ZPC — ptuczki
kaskadowa PP z otoczenia zawierajace
natryskiem Czas: 1 minuta | chrom

34. 152 Ptuczka 2,348 Woda demineralizowana Temperatura ZPC — ptuczki
kaskadowa PP z otoczenia zawierajace
natryskiem Czas: 1 minuta | chrom

35. 153 Redukcja chromu | 3,122 Pirosiarczyn sodu; Temperatura ZKC -

Neolink reducer; ok. 25°C Czas: | koncentraty
Woda demineralizowana 2 minuty zawierajace
chrom

36. 154 Ptuczka 2,402 Woda demineralizowana Temperatura ZPC — ptuczki
kaskadowa otoczenia zawierajace

Czas: 0,5 chrom
minuty

37. 155 Ptuczka 2,402 Woda demineralizowana Temperatura ZPC — ptuczki
kaskadowa PP z otoczenia zawierajace
natryskiem Czas: 0,5 chrom

minuty

38. 156 Ptuczka 2,402 Woda demineralizowana Temperatura ZPC — ptuczki
kaskadowa PP z otoczenia zawierajace
natryskiem Czas: 0,5 chrom

minuty

39. 157/213 | Ptukanie 2,402 Woda Temperatura ZP — ptuczki
przejezdne otoczenia kwasno-

Czas: <6 minut | alkaliczne

40. 214 Ptukanie gorgce 2,508 GemEniPostDip Ws 1; Temperatura ZP — ptuczki

Woda demineralizowana ok. 60 °C Czas: | kwasno-
2 minuty alkaliczne

41. 215 Suszenie 58 Temperatura ZP — ptuczki

60-90 °C Czas: | kwasno-
12-18 minut alkaliczne
42. 216 Suszenie 5,8 Temperatura ZP — ptuczki
60-90 °C Czas: | kwasno-
12-18 minut alkaliczne

43. 233 Odmetalizowanie | 8,489 UniStrip rackstrip BR; Temperatura ZKC —

elektrochemiczne UniStrip rackstripCorrector; | ok.40°C Czas: | koncentraty
Woda demineralizowana 5 minut zawierajace
chrom

44. 234 Odmetalizowanie UniStrip rackstrip BR; Temperatura ZKC —
elektrochemiczne UniStrip rackstripCorrector; | ok. 40 °C Czas: | koncentraty

Woda demineralizowana 5 minut zawierajgce
chrom

45, 235 Ptuczka 2,238 Woda Temperatura ZPC — ptuczki
kaskadowa PP z otoczenia zawierajace
natryskiem Czas: 0,5 chrom

minuty

46. 236 Ptuczka 2,348 Woda Temperatura ZPC — ptuczki
kaskadowa PP z otoczenia zawierajace
natryskiem Czas: 0,5 chrom




minuty

47. 237 Suszenie 5,8 Temperatura ZP — ptuczki
60-90 °C Czas: | kwasno-
12-18 minut alkaliczne

Linia do $ciggania wadliwych powtok

W przypadku wyrobdw nie spetniajgcych wymogdw jako$ciowych, wyroby te beda kierowane
na linie odciggania. Na linii tej bedzie prowadzony proces zdejmowania powtok chromowych
i niklowych nie spetniajgcych wymogdw jakosciowych w celu ich ponownego zawrdcenia po
oczyszczeniu do procesu nakfadania powtok. Proces zdejmowania powtok oparty jest na
procesach chemicznych i elektrochemicznych. Polega na wstepnym elektrochemicznym usuwaniu
powtoki chromowej w kapieli alkalicznej (wanna nr 4). Po usunieciu powtoki chromowej detale na
zawieszkach przechodzg w sposéb automatyczny przez etapy ptukania (wanny 5-7) po czym
poddawane sg elektrochemicznemu usuwaniu powtoki niklowej w stezonym kwasie siarkowym
(wanny nr 10-11). W celu zapewnienia odpowiedniej przepustowosci, linia jest wyposazona w
dwie wanny do usuwania powtoki, bowiem jest to proces dtugotrwaty. Po usunieciu powtoki
niklowej detale poddawane sg ptukaniu w ptuczkach 7-9 w celu usuniecia pozostatosci medium z
wanien 10-11. W kolejnym etapie nastepuje catkowita neutralizacja kwasu z procesu
elektrochemicznego zdejmowania powtoki niklowej w roztworze weglanu sodu. Po wyptukaniu i
wysuszeniu detale na zawieszkach opuszczajg linie i sg gotowe. Przebieg procesu $ciggania powtok
Cr i Ni odbywa sie w sposdb automatyczny, sposobem zawieszkowym, za pomocg jednego
transportera, na linii obejmujacej:

— jedno stanowisko zatadunku i roztadunku;

— magazyn zatadunkowo-roztadunkowy sktadajacy sie z czterech stanowisk buforowych, dla
towaru wprowadzonego do procesu, towaru wyprowadzonego z procesu oraz pustych
wieszakoéw.

Procesy w wannach na linii Sciggania powtok odbywajg sie w nastepujacej kolejnosci:

Tabela nr 2
. L. Sktadniki Temperatura
Numer . Pojemnos¢ . . Typ
Lp. Rodzaj procesu kapieli i procesu, czas trwania e 1.
wanny wanny [m3] . Sciekéw
rodzaj wody procesu
1. Wanna 4 Elektrochemiczne 0,85 Slotoclean Temperatura 40-50 °C ZKC -
$cigganie powtoki EL211 lub; Czas: 5-10 minut koncentraty
chromowej NaOH (3- zawierajace
6%); chrom
2. Wanna 5 Ptukanie 0,66 Woda Temperatura otoczenia | ZPC—
czas: 2 minuty ptuczki
zawierajace
chrom
3. Wanna 6 Ptukanie 0,66 Woda Temperatura otoczenia | ZPC—
czas: 2 minuty ptuczki
zawierajace
chrom
4, Wanna 7 Ptukanie 0,66 Woda Temperatura otoczenia | ZPC—
czas: 2 minuty ptuczki
zawierajace
chrom
5. Wanna 10 | Elektrochemiczne 0,85 H,S0,75% Temperatura 32-38 °C ZKK —
$cigganie powtoki gliceryna Czas:20-30 minut koncentraty
niklowej kwasne




6. Wanna 11 | Elektrochemiczne 0,85 H,S0475% Temperatura 32-38 °C ZKK -
$cigganie powtoki gliceryna Czas: 20-30 minut koncentraty
niklowej kwasne

7. Wanna 9 Ptukanie 0,66 Woda Temperatura otoczenia | ZP — ptuczki

Czas: 3 minuty kwasno-
alkaliczne

8. Wanna 8 Ptukanie 0,66 Woda Temperatura otoczenia | ZP — ptuczki

Czas: 3 minuty kwasno-
alkaliczne

9. Wanna 7 Ptukanie 0,66 Woda Temperatura otoczenia | ZPC—

Czas: 3 minuty ptuczki
zawierajace
chrom

10. | Wanna 3 Neutralizacja po 0,80 Na,CO3 Temperatura otoczenia | ZKA -
procesie Sciggania Czas: 2 minuty koncentraty
powtoki niklowej w alkaliczne
kwasie siarkowym

11. | Wanna 2 Ptukanie 0,80 Woda Temperatura otoczenia | ZP — ptuczki

miejska Czas: 3 minuty kwasno-
alkaliczne

12. | Wannal Suszenie detali po 0,66 80°C
procesie Sciggania 10 min
powtok

Oczyszczalnia sciekéw

Zaktadowa oczyszczalnia Sciekéw przemystowych zaprojektowana zostata na przepustowosé
wynoszacg 2 m3/h i ma pracowaé w sposoéb ciggty.

Do oczyszczalni kierowane beda $cieki powstajgce w procesie galwanicznego pokrywania,
w procesie Sciggania wadliwie natozonych powtok Cr i Ni oraz od 1 stycznia 2024 r. scieki
z trawienia w kwasie siarkowym po lutowaniu z procesu wytrawiania i ptukania detali po procesie
lutowania (z instalacji pozostate] ujetej w pozwoleniu zintegrowanym dla odlewni).

Kierowane do zaktadowej oczyszczalni sSciekéw Scieki technologiczne oczyszczane beda
w nastepujacych fizyko-chemicznych procesach:

redukcji szesciowartosciowego chromu,

wytrgcaniu/neutralizacji metali ciezkich,

sedymentacji i filtracji,
doczyszczaniu $ciekdw na dwdch stacjach odwrdconej osmozy oraz wyparce.

Ze wzgledu na Zrédto ich powstawania scieki surowe beda magazynowane i gromadzone
w nastepujacych zbiornikach:

Tabelanr 3
Lp. Nazwa Rodzaj scieku Zrédto i charakterystyka sciekéw
zbiornika
Sciekow
1. ZKC — zbiornika Koncentraty Cr | Stanowig Roztwdr zawierajgcy koncentrat chromu
koncentratow szesciowartosciowego z kapieli gtéwnej lub ptukania
Cr statycznego z linii galwanicznej i linii odciggania, pochodzié¢
beda z nastepujacych wanien: 147, 148, 153, 233, 234, 4.
2. ZPC - zbiornik Ptuczki Cr Stanowig rozcieficzony roztwér po ptukaniu zawierajgcy chrom
poptuczyn Cr szes$ciowartosciowy oraz roztwdr z linii odciggania z procesu
$ciggania powtok niklowej i chromowej z linii galwanicznej i




linii odciggania, pochodzi¢ bedg z nastepujacych wanien: 149,
150, 151, 152, 154, 155, 156, 235, 236, 5-7.

3. ZP — zbiornik Ptuczki stanowig alkaliczne i kwasne rozcienczone roztwory z wanien
poptuczyn kwasno- do ptukania z linii galwanicznej i linii odciggania, pochodzi¢
alkaliczne beda z nastepujacych wanien: 108, 109, 110, 113, 115, 116,
117,119, 120, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 133, 134, 135,
157/213, 214, 215, 216, 237, 2, 8/9, (Scieki z lutowania od 1
stycznia 2024 r.).

4, ZKA — zbiornik Koncentraty Stanowig roztwor z odttuszczania i usuwania powtoki z linii
koncentratow alkaliczne galwaniczne;j i linii odciggania, pochodzi¢ bedg z nastepujacych
alkalicznych wanien: 111, 112, 114, 118, 121, 3.

5. ZKK — zbiornik Koncentraty Stanowig kapiele trawigce z linii galwanicznej i linii odciggania,
koncentratéow kwasne pochodzi¢ beda z nastepujacych wanien: 107, 125, 10, 11.
kwasnych

6. ZKN — zbiornik Kapiele Ni Stanowig kapiele zawierajgce roztwér koncentrat niklu z linii
koncentratéw niklowe galwanicznej, pochodzi¢ beda z nastepujgcych wanien: 129,
niklowych 130, 131, 132.

Zbiorniki i urzadzenia wchodzgce w sktad oczyszczalni Sciekow:

zbiornik buforowy poptuczyn i koncentratow niklowych ZB1, o pojemnosci 1 m3;
zbiornik buforowy poptuczyn i koncentratéw chromowych ZB2, o pojemnosci 1 m3;
zbiornik buforowy koncentratéw kwasnych ZB3, o pojemnosci 1 m3;

zbiornik buforowy koncentratéw alkalicznych ZB4, o pojemnosci 1 m3;

zbiornik poptuczyn chromowych ZPC, o pojemnosci 5 m3;

zbiornik koncentratow chromowych ZKC, o pojemnosci 5 m3;

zbiornik poptuczyn kwasno-alkalicznych ZP, o pojemnosci 17 m3;

zbiornik koncentratow alkalicznych ZKA, o pojemnosci 15 m3;

zbiornik koncentratow kwasnych ZKK, o pojemnosci 15 m?3;

zbiornik koncentratow niklowych ZKN, o pojemnosci 5 m3;

zbiorniki reakcyjne ZR 1 - o pojemnosci 2 m3, ZR2 - o pojemnosci 2 m3, ZR3 - o pojemnosci

3 m3, ZR4 — o pojemnosci 2 m3;
osadnik OS, o pojemnosci 5 m3;

zbiornik osadu Z0S, o pojemnosci 2 m3;
prasa filtracyjna PF;
zbiornik odcieku z prasy ZOD, o pojemnosci 2 m3;

zbiorniki kontrolne ZK1, ZK2, o pojemnosci 2 m?3 kazdy;

zbiornik na eluaty po regeneracji stacji filtracji kofncowej i stacji wody DEMI ZK3,
0 pojemnosci 2 m3;
zbiornik koncentratéow z odwrdéconej osmozy ZK4, o pojemnosci 2 m3;
zbiornik na solanke po wyparce ZK5, o pojemnosci 2 m3;

zbiorniki dozowania ZD1, ZD2, ZD3, ZD4, ZD5, o pojemnosci 1 m3 kazdy;
zbiornik $ciekdw oczyszczonych ZWD1, o pojemnosci 5 m3;

Zbiornik wody DEMI ZWD2, o pojemnosci 12 m3;

stacja filtracji koncowej DI1, o pojemnosci 1 500 |;

odwrdcona osmoza RO1, RO2;

wyparka EV.
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W celu doktadnego zneutralizowania wszystkie Scieki sg dostarczane pompa do odpowiedniego
zbiornika. Zadaniem zbiornikéw jest zapewnienie odpowiedniego przeptywu sciekéw do czesci
wlotowej oczyszczalni sciekdw. W ten sposdb skoncentrowane i rozcienczone chemikalia zostang
oddzielone w zbiornikach. Po zebraniu sciekédw nastepnym procesem w procesie oczyszczania
Sciekow bedzie redukcja chromu.

Redukcja chromu szesSciowartosciowego

Chemiczne oczyszczanie $ciekdw zawierajgcych chrom jest prowadzone dwuetapowo.
W pierwszym etapie szesciowartosciowy chrom jest redukowany do tréjwartosciowego chromu
za pomocy chemicznego $rodka redukujgcego pirosiarczynu sodu. Podczas drugiego etapu
obrébki wytraca sie tréjwartosciowy chrom w postaci nierozpuszczalnego wodorotlenku metalu.
W tym celu $cieki zawierajace chrom szesciowartosciowy bedg pompowane z linii do zbiornika
buforowego poptuczyn i koncentratéw Cré ZB2 i do kolektorow ZPC — zbiornika poptuczyn
chromowych/ZKC — zbiornika koncentratéw chromowych, a stamtad do zbiornika reaktora ZR1.
W reaktorze tym dodany zostanie kwas siarkowy (VI) ewentualnie wodorotlenek sodu w celu
obnizenia odczynu do pH ponizej 2. Reakcja redukcji zostanie przeprowadzona za pomoca
dodanego pompa do reaktora roztworu pirosiarczynu sodu. Catkowita reakcja bedzie
kontrolowana poprzez miernik ORP.

Wytracanie/neutralizacja metali ciezkich

W celu wytracenia wodorotlenkéw metali, do $ciekdw zostanie dodana substancja alkaliczna,
tj. wapno lub wodorotlenek sodu, aby zwiekszy¢ pH do optymalnego zakresu minimalnej
rozpuszczalnosci, przy ktérej metal wytraca sie jako wodorotlenek. Na tym etapie wszystkie
rodzaje sciekéw, w tym Scieki zawierajgce chrom tréjwartosciowy wraz ze $ciekami z reaktora ZR1,
Scieki rozcienczone ze zbiornika ZP— zbiornika zawierajgcego ptuczki kwasno-alkaliczne, Scieki
kwasne i alkaliczne, $cieki koncentratu z kapieli niklowych, bedg przepompowywane do reaktora
ZR2. W reaktorze tym pH ustawia sie na wartos¢ 9 w celu optymalnego tworzenia wodorotlenku
metalu. Wytrgcanie metali nastgpi poprzez dodanie pompami wodorotlenku sodu, wapna, kwasu
siarkowego (V1) w celu dostosowania pH. Pompy dozujgce sterowane sondami pH doprowadzajg
do modutu kwas lub substancje alkaliczng, zgodnie z wymogami utrzymania dopuszczanej
zasadowosci tworzenia wodorotlenkéw metali przed odprowadzeniem do urzadzenia reakcyjnego
sktadajgcego sie ze zbiornika mieszajgcego i odstojnika. W kolejnym zbiorniku reakcyjnym ZR3 za
pomocg pompy ze zbiornika dozowania ZD4 zostanie dodany koagulant (Ekoflok), powodujacy
wytrgcanie metali ciezkich, ktére nie zostaty zwigzane w postaci wodorotlenkéw. W celu
uzyskania minimalnego czasu retencji do przeprowadzenia reakcji chemicznej scieki beda
kierowane do zbiornika reakcyjnego ZB4.

Sedymentacja i filtracja

Oczyszczone scieki bedg pompowane do osadnika. W celu zwiekszenia rozmiaru czastek, ktére
powstajg podczas proceséw wytracania i neutralizacji, do strumienia $ciekéw przed wejsciem do
osadnika dodawany jest flokulant. W ten sposdb mate czastki potaczg sie ze sobg i zwiekszg
szybkos¢ sedymentacji. Po procesie flokulacji osad zostanie przepompowany z osadnika do
zbiornika osadu i nastepnie bedzie skierowany na prase filtracyjng w celu zageszczenia osadu.
W trakcie przeptywu przez prase nastepowaé bedzie osadzanie sie osadu na tkaninach
filtracyjnych. Ciecz filtracyjna bedzie trafiata do zbiornika odcieku z prasy ZOD, po czym bedzie
zawracana do zbiornika poptuczyn. W momencie , przetadowania” prasy, co sygnalizowane jest
wzrostem cisnienia odczytywanym na manometrze bedgcym na wyposazeniu prasy filtracyjnej,
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konieczne jest jej oczyszczenie, polegajgce na usunieciu osadu zebranego na ramach filtracyjnych.
Osad zrzucany z prasy magazynowany bedzie w magazynie odpadéw poza obszarem oczyszczalni.

Doczyszczanie Scieku

Etap ten obejmuje koricowe doczyszczanie Scieku. Czes¢ sScieku ze zbiornika kontrolnego trafia
bezposrednio do zbiornika Sciekdw oczyszczonych ZWD1. Pozostata czesé trafia na stacje
doczyszczajgcg DI1. Po niej Scieki przechodzg przez pierwszg odwrdcong osmoze RO1. Po niegj
wytwarzane jest 1 m3/h czystej wody kierowanej do zbiornika ZWD1 i 0,5 m3/h koncentratu
kierowanego na drugg odwrdécong osmoze RO2. Po niej z kolei wytwarza sie 0,25 m3/h
koncentratu, ktory jest kierowany na wyparke. Destylat po wyparce kierowany jest do koricowego
zbiornika ZWD1 oczyszczalni, w ktérym gromadzone sg scieki oczyszczone o parametrach
pozwalajgcych na ich odprowadzanie do srodowiska — do ziemi, natomiast koncentrat zawierajgcy

solanke kierowany jest do zbiornika ZK5 i oddawany jest do utylizacji jako odpad.

I.3. Rodzaj i ilos¢ wykorzystywanej energii, materiatéw i surowcow

Tabelanr 4
Lp. Rodzaj energii, materiaté\.lv i suroy_vcc’)w Jednostka Zusycie
wykorzystywanych w instalacji!)
Linia pokrywania galwanicznego

1. Energia elektryczna MWh/rok 2 000

2. Preparaty do przygotowania powierzchni (trawienie) | Mg/rok 1,7

3. Kwas siarkowy 75 % Mg/rok 12

4, Preparaty do przygotowania powierzchni | Mg/rok
(odttuszczania) 28, w tym
Uniclean 1072 lub 23 lub
Uniclean 1102 lub 28 lub
Uniclean 1582 25

5. Preparat poprawiajacy skutecznos¢ mycia Mg/rok 1,4
Uniclean 415 0,9
Uniclean 444 0,5

6. Preparat do wusuwania filmu zmydlonej pasty | Mg/rok 4,0
polerskiej UniClean 650

7. Preparat do aktywacji powierzchni mosigdzu | Mg/rok 4,0
UniClean 650

8. Siarczan niklu Mg/rok 4,4

9. Chlorek niklu Mg/rok 2,5

10. | Powtoka dekoracyjna niklu Mg/rok 15,5
Ni Brigtenes Correction Solution 2,3
Supremem Plus Brightener 4,4
Supreme Plus Leveller 2,2
Nickel Additive SAK 2,2
Wetting Agent NPA 0,7
Wetting Agent NIM 0,3
Black Label Max 6 2,2
LCD Corrector Ni 1,1

11. | Anody niklowe Mg/rok 24,0

12. | Aktywator chromu Cr Activator Additive Mg/rok 0,7

13. | Tlenek chromu (VI) Mg/rok 9,6

14. | Kwas siarkowy VI (96%) Mg/rok 0,01

15. | Powtoka dekoracyjna chromu Mg/rok 4,5
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DC Additive 2

DC Additive 2 1,7
Fumetrol 21 0,8
16. | Preparat do usuwania resztek bezwodnika kwasu | Mg/rok 2,0
chromowego - Neilink Reducer
17. | Pirosiarczyn sodu Mg/rok 1,6
18. | Preparat do ptukania gorgcego GemEniPostDip Ws 1 | Mg/rok 1,4
19. | Preparat do usuwania narostow powtok z kontaktéw | Mg/rok 10,0
zawieszek UniStrip Rackstrip BR
20. | Preparat do odmetalizowania UniStrip Rackstrip | Mg/rok 2,5
Corrector
Zestawienie pomocniczych surowcow wykorzystywanych w procesie technologicznym
21. | Perhydrol w procesie niklowania I/rok 120
22. | Wegiel aktywny w procesie niklowania kg/rok 240
23. | Worki anodowe w procesie niklowania szt/rok 160
24. | Anody otowiane w procesie aktywacji chromu i | szt/rok 112

chromowania dekoracyjnego

Linia $ciggania wadliwych powtok

25. | Slotoclean EL211 lub I/rok 2 250
Wodorotlenek sodu kg/rok 2 500
26. | Wodorotlenek sodu 50% r-r kg/rok 5 000
27. | Weglan sodu kg/rok 1250
28. | Kwas siarkowy 75% I/rok 20 400
29. | Gliceryna kg/rok 192
Oczyszczalnia Sciekow
30. | Koagulant kg/rok 1200
31. | Polielektrolit kg/rok 60
32. | Wapno kg/rok 2 500
33. | Wodorotlenek sodu kg/rok 29 000
34. | Kwas siarkowy kg/rok 3000
35. | Pirosiarczyn sodowy kg/rok 4 500
36. | Kwas solny kg/rok 7 500
objasnienia

1) wymienione stosowane $rodki sg przyktadowe, dopuszczalne jest stosowanie $srodkéw innych, nowych, ale o tym
samym sktadzie,

2) $rodki Uniclean 107, Uniclean 110, Uniclean 158 wykorzystywane beda zamiennie z takim samym lub zblizonym
skutkiem odttuszczajgcym, a decydowac o tym bedzie dostepnosé rynkowa i cena produktéw.

1.4. llos¢ wody wykorzystywanej na potrzeby instalacji

Zaktad na potrzeby technologicznie bedzie wykorzystywat wode pochodzaca z wtasnego
ujecia wod podziemnych lub awaryjnie z drugostronnego zasilania z miejskiej sieci wodociggowe;j
oraz wode demineralizowana, ktéra bedzie produkowania na zaktadowej stacji DEMI Il.
Pobdr wdd podziemnych z wtasnego ujecia zaktad ma uregulowany w odrebnym
pozwoleniu wodnoprawnym.
Woda w linii pokrywania galwanicznego i w linii $ciggania wadliwych powtok niklowej

i chromowej wykorzystywana bedzie na nastepujace potrzeby:

— do przygotowania kapieli procesowych, uzupetninia ich poziomdw oraz do ptukania;

— do mycia i ptukania poszczegdlnych elementdw instalacji urzadzen peryferyjnych, tj.: ptukania
wanien niklowych oraz zbiornika zapasowego z pozostatosci wegla aktywnego po
przeprowadzonej regeneracji kapieli niklowej, tj.:
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ptukania koszy anodowych w celu wyptukania szlamu, powstatego w wyniku zachodzacych
proceséw galwanicznych;
ptukania workéw anodowych
skrystalizowanych soli;
okresowego ptukania wanny chromowej w celu usuniecia zanieczyszczen powstatych
podczas zachodzgcych proceséw galwanicznych oraz ptukania anod otowiowych;
wyptukiwania zanieczyszczen z ptuczek powstatych podczas procesu mycia, trawienia,
neutralizacji, $Sciggania wadliwych powtok;

ptukania wanien procesowych procesu odciggania wadliwej powtoki; okresowego ptukania
podestu w celu usuniecia zanieczyszczen powstatych w wyniku uzupetniania kapieli
odttuszczajacych i trawigcych;

ptukania filtrow galwanicznych przektadkowych z zanieczyszczen powstatych po procesie
filtracji kapieli niklowych (w tym optukiwania przektadek oraz zewnetrznej czesci
orurowania);

ptukania filtréw galwanicznych kapieli procesowych; okresowego ptukania instalacji
wyciggow szczelinowych w celu zachowania droznosci instalacji;

ptukania daszkéw pomiedzy wannami procesowymi oraz transporteréw w celu utrzymania
czystosci kapieli i uniemozliwienia przenoszenia zanieczyszcze pomiedzy wannami;
okresowego wyptukiwania dozownikéw przeznaczonych na dodatki do niklowania;
okresowego ptukania belek na ktérych umieszczane sg zawieszki z detalami do
galwanizowania lub $ciggania wadliwej powtoki w celu zachowania czystosci instalacji oraz
utrzymania jakosci wyrobow;

okresowego ptukania skruberéw.

(polipropylenowych) z pozostatosci szlamu oraz

llos¢ wykorzystywanej wody na wszystkie potrzeby instalacji wynosi :

— ilos¢ wody
— ilos¢ wody demineralizowanej

Warunki

6240 m3/rok;
6240 m3/rok.

wprowadzania do S$rodowiska substancji i energii w czasie normalnego

funkcjonowania instalacji

Il.1. Wprowadzanie gazéw i pytéw do powietrza

I.1.1. Zrédta powstawania i miejsca wprowadzania gazéw i pyléow do powietrza, ich

charakterystyka oraz czas eksploatacji Zrédet emisji

Tabela nr5
Charakterystyka emitora
L2 < . Temp. R
Lp. K.o d Nazwa zrdodta emisji Wys? kos¢ Srednica Predkos¢ | wylotowa Czas tryvfnla
emitora emitora wew. . emisji
gazéw
[m] [m] [m/s] [K] [h/rok]
INSTALACJA DO POWIERZCHNIOWEJ OBROBKI METALI — GALWANIZERNIA
1. |EeL1 | iniado powierzchniowe] obrobki 12,0 13 12,14 293 6240
metali wraz z oczyszczalnig Sciekdw
2. ESL-2 Linia odciggania niklu i chromu 6,6 0,4 0 293 6240
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11.1.2. Wielkos¢ dopuszczalnej emisji zanieczyszczenn do powietrza w warunkach normalnego
funkcjonowania instalacji

Tabelanr 6
Emisja Emisja roczna
Kod Nazwa zrédta emisji Rodzaj urzadzenia . dopuszczalna ! .
Lp. . . . Nazwa substancji . z emitora
emitora substancji redukcyjnego z emitora [Mg/rok]
[kg/h]
INSTALACJA DO POWIERZCHNIOWEJ OBROBKI METALI — GALWANIZERNIA
Kwas siarkowy 0,01843 0,1150
Linia do powierzchniowej skruber Kwas solny 0,00421 0,0263
1. EGL-1 obrébki metali wraz z =99 % Fluor 0,06556 0,4091
OCZySZCZaInia Sciekow n= ’ Nikiel 0.0058 00362
Chrom 0,0116 0,0724
Linia odciaggania niklu i skruber .
2. ESL-2 chromu n=862% Kwas siarkowy 0,0495 0,3089
EMISJA ROCZNA
[Mg/rok]
Kwas solny 0,0263
Kwas siarkowy 0,4239
Fluor 0,4091
Nikiel 0,0362
Chrom 0,0724

11.2. Emisja hatasu do srodowiska

11.2.1. Zrédta emisji hatasu oraz rozktad czasu pracy zrédet hatasu w ciggu doby

Tabela nr 7
Czas pracy zrodet hatasu [h]
Lp. Nazwa Zrodta hatasu
Pora dzienna Pora nocna
6:00-22:00 | 22:00-6:00
Instalacje wymagajace uzyskania pozwolenia zintegrowanego
Zrédta punktowe
1. | Wentylatory dachowe W1g — W11g; Ly = 63 dBA 16 8
2. | Wentylatory dachowe W12g; W14g; Ly, = 65 dBA 16 8
3. | Wentylator dachowy W13g; Lya= 67 dBA 16 8
4. | Wentylator dachowy W15g; Ly = 82 dBA 16 8
5. | Centrala nawiewna CN1g; Lya= 54,6 dBA 16 8
6. | Centrala nawiewna CN2g; Lywa= 55 dBA 16 8
7. | Centrala nawiewna CN3g; Lya,=55 dBA 16 8
8. | Centrala nawiewno — wentylacyjna CNW1g; Lwa=55 dBA 16 8
9. | Centrala nawiewno — wentylacyjna CNW2g; Lya=49 dBA 16 8
10.| Centrala nawiewno — wentylacyjna CNW3g; Lya=52 dBA 16 8
11 Exhaust system linii galwanicznej EXGL; Lya = 103 dBA; 16 3
(thumik hatasu: 6dB)
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12. | Agregat wody lodowej AGW Lya= 82 dBA 16 8
Zrédta typu budynek
Hala galwanizerii G; Lyew=75 dBA; 16 8
13.| (izolacyjnos¢ akustyczna przegrdd budynku: 25 dB)

1) poziom hatasu wewnatrz budynku w odlegtoéci 1 m od przegréd zewnetrznych budynku.

1.2.2. Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku od instalacji obowigzujgce na najblizej
potozonych terenach objetych ochrong akustyczng

Tabela nr 8

Oznaczenie terenéw
podlegajacych ochronie

Opis terenu wg tabeli nr 1 zatacznika do|
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z

Dopuszczalny poziom hatasu
w Srodowisku w [dB]
wyrazony rownowaznym

Lp. akustycznej zlokalizowanych dnia 14 czerwca 2007 r. poziomem diwigku Lyeqp i
w sgsiedztwie instalacji (Dz. U.z2014 ., poz. 112) Laeqn
pora dnia pora nocy
. . .| Lp.2a
T k
1. ereny zabudowy mieszkaniowej Tereny zabudowy mieszkaniowe;j 50 40

jednorodzinnej (MN)Y

jednorodzinne;j

1) na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwatg Nr XXVIl/196/16 Rady
Miejskiej w Olesnie z dn. 28 wrzesnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w Olesnie w rejonie ulic: Lesnej, Rolniczej, Targowej, Sienkiewicza, Gorzowskiej i Sosnowej (Dz. Urz.

Woj

. Opolskiego z 2016 r. poz. 2143).

11.3. Emisja odpadéw

11.3.1. Rodzaje i ilosci przewidywanych do wytworzenia odpadéw wraz z okresleniem ich zrédta

powstawania, miejsca magazynowania i sposobu zagospodarowania

Tabela nr9
. Kod llos¢é Zrédto L . . Sposé6b dalszego
Lp. Rodzaj odpadu odpadu [Mg/rok] powstawania Miejsce i spos6b magazynowania zagospodarowania
Instalacja pokrywania galwanicznego
Odpad stanowia

Inng odpady zuzyt.e anody Odpady magazynowane w

zawierajace otowiane .

substancje wykorzystywane szczelnych, zamykanych, opisanych odzysk/

1. . ,J 1101 98* 1,7 v ysty pojemnikach w wyznaczonym . Y L

niebezpieczne do s ; . unieszkodliwianie
. . miejscu w magazynie odpaddw L
(zuzyte anody przygotowywania ) . . .
. L w hali nowej galwanizerni.
otowiane) kapieli
galwanicznych
Mi | lej
. m'era neolee Odpad stanowi
silnikowe, rzepra n
przektadniowe i P z.ep cowany
cmarowe olej Odpady magazynowane w odzysk/

2. . 13 02 04* 1,0 wykorzystywany szczelnych, zamykanych, opisanych . ¥ L
zawierajace . . . unieszkodliwianie
2wiazki w urzadzeniach pojemnikach w wyznaczonym

wchodzacych w miejscu w magazynie A.
chlorowco- . "
. sktad instalacji
organiczne A
Mineralne oleje pokrywania

3. o 13 02 05* 2,0 galwanicznego

silnikowe,
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przektadniowe i
smarowe,
niezawierajace
zwigzkéw
chlorowco-
organicznych

Odpad stanowig

Opakowania .
S puste opakowania
zawierajace . Odpady magazynowane w
L . po substancjach .
pozostatosci wykorzvstywa- szczelnych, zamykanych, opisanych odzysk/
substancji 1501 10* 12,0 yorzysty . pojemnikach w wyznaczonym . Y .
. . nych w procesie o . . unieszkodliwianie
niebezpiecznych . miejscu w magazynie odpaddéw L
o technologicznym . . . .
lub nimi . w hali nowej galwanizerni.
. pokrywania
zanieczyszczone .
galwanicznego
Sorbenty,
materiaty
filtracyjne (w tym
filtry olejowe
nieujete w
i h h .
ngz?nyg;gpac ) Odpad stanowi Odpady magazynowane w
wycierania (np. 1502 02* 12,0 zuzytg czysuwo,‘ szc.zelny'ch, zamykanych, opisanych ' odzys.k/. ‘
o ubrania robocze i pojemnikach w wyznaczonym unieszkodliwianie
szmaty, scierki) rekawice miejscu w magazynie A
i ubrania & ) gazy )
ochronne
zanieczyszczone
substancjami
niebezpiecznymi
(np. PCB)
Zuiyte Odpad powstaje’ .
. podczas czynnosci
urzadzenia .
L serwisowych
zawierajace L . Odpady magazynowane w
niebezpieczne oéwietlenia szczelnych, zamykanych, opisanych odzysk/
P ) 16 02 13* 0,8 zaktadu (wymiany A y ! ykanych, opisany . v L
elementy inne . . pojemnikach w wyznaczonym unieszkodliwianie
.. I zuzytych zrédet e .
niz wymienione éwiatta) oraz miejscu w magazynie A.
w 16 02 09 do 16 wymian
0212 ymiany
zuzytego sprzetu
Zuzyte lub
Zuzyte przeterminowe
nieorganiczne nieorganiczne
chemikalia chemikalia
zawierajace zawierajace
st.Jbstan.qe 16 05 07 * 10,0 Sl.Jbstan.qe
niebezpieczne niebezpieczne z
(np. galwanizerni i
przeterminowa- laboratorium, Odpady magazynowane w
ne odczynniki nienadajgce sie szczelnych, zamykanych, opisanych odzysk/
chemiczne) do dalszego pojemnikach w wyznaczonym . ¥ L
. . e . . unieszkodliwianie
uzytkowania miejscu w magazynie odpaddéw L
Zuzyte Zuzyte lub w hali nowej galwanizerni.
organiczne przeterminowe
chemikalia organiczne
zawierajace chemikalia
substancje 16 05 08* 5,0 zawierajace
niebezpieczne substancje
(np. niebezpieczne z
przeterminowa- galwanizerni i

ne odczynniki

laboratorium,
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chemiczne)

nienadajgce sie
do dalszego
uzytkowania

Zuzyte
urzadzenia inne

Odpad powstaje
gtéwnie w wyniku
okresowych
wymian zuzytych
maszyn i urzagdzen
(np. z linii
technologicznej)

Odpady magazynowane w
szczelnych, zamykanych, opisanych

odzysk/

S niz wymienione 160214 Le oraz podczas ojemnikach w wyznaczonym unieszkodliwianie
w 16 02 09 do 16 po poje yznaczony
sytuacji miejscu w magazynie A.
0213 h
awaryjnych
zwigzanych z
awarig sprzetu
(maszynii
urzadzen)
Odpad powstaje
gtéwnie w wyniku
okresowych
wymian zuzytych
Elementy maszyn i urzagdzen
usuniete z (np. z linii Odpady magazynowane w
zuzytych technologicznej) szczelnych, zamykanych, opisanych odzysk/

10. L. .. 16 02 16 0,4 K ; . Lo
urzadzen inne niz oraz podczas pojemnikach w wyznaczonym unieszkodliwianie
wymienione w sytuacji miejscu w magazynie A.

16 02 15 awaryjnych
zwigzanych z
awaria sprzetu
(maszyn i
urzadzen)
Zuzyte lub
przeterminowe
chemikalia:
odczynniki i
Zuzyte subst?nqe Odpady magazynowane w
e chemiczne z .
chemikalia inne . . szczelnych, zamykanych, opisanych
. L galwanizerni i ] . odzysk/
11. | niz wymienione 16 0509 5,0 . pojemnikach w wyznaczonym . L
laboratorium, . . . unieszkodliwianie
w 16 05 06, 16 05 niezawieraiace miejscu w magazynie odpaddéw L
07 lub 16 05 08 " 1 w hali nowej galwanizerni.
substancji
niebezpiecznych i
nienadajgce sie
do dalszego
uzytkowania.
Instalacja oczyszczania sciekéw technologicznych
Mineralne oleje o:jzre)a(rjassc?:vz:”
silnikowe, gle' P 4
przektadniowe i ) Odpady magazynowane w
smarowe wykorzystywany szczelnych, zamykanych, opisanych odzysk/
1. L 13 02 04* 0,5 w urzadzeniach . L ’ . o
zawierajace pojemnikach w wyznaczonym unieszkodliwienie
. wchodzacy w o .
zwigzki . " miejscu w magazynie A.
sktad instalacji
chlorowco- .
. oczyszczalni
organiczne s
sciekow
Mineralne oleje Odpad stanowi Odpady magazynowane w
o . odzysk/
2. silnikowe, 13 02 05* 1,0 przepracowany szczelnych, zamykanych, opisanych . L
. . . . . unieszkodliwienie
przektadniowe i olej pojemnikach w wyznaczonym
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smarowe, wykorzystywany miejscu w magazynie A.
niezawierajgce w urzadzeniach
zwigzkdéw wchodzacy w
chlorowco- skfad instalacji
organicznych oczyszczalni
Sciekow
Szlamy
zaW|eraJe?ce Odpady magazynowane w
substancje . .
. . Odpad stanowig szczelnych, zamykanych, opisanych
niebezpieczne z . ; odzysk/
. - 19 08 13* 90,0 osady pojemnikach w wyznaczonym . L
innego niz . . C . . unieszkodliwienie
. . poneutralizacyjne | miejscu w magazynie odpaddéw L
biologiczne . . . .
. w hali nowej galwanizerni.
oczyszczania
Sciekow
Sole i roztwory Odpady magazynowane w
inne niz . szczelnych, zamykanych, opisanych
L Odpad st . . dzysk,
wymienione w 0603 14 140,0 solsramkasza\zovgrki pojemnikach w wyznaczonym unies(;k;\cltlsliv{/ienie
0603 11 06 03 P miejscu w magazynie odpadow L
13 w hali nowej galwanizerni.
Szlamy z innego
niz blologlc.zne Odpady magazynowane w
oczyszczania . .
L Odpad stanowiag szczelnych, zamykanych, opisanych
Sciekow A ; odzysk/
1908 14 90,0 osady pojemnikach w wyznaczonym . L
przemystowych . . . . . unieszkodliwienie
inne niz poneutralizacyjne | miejscu w magazynie odpadow L
L w hali nowej galwanizerni.
wymienione w
1908 13
Odpady magazynowane w
Inne Odpad stanowi szczelnych, zamykanych, opisanych odzysk/
niewymienione 19 08 99 0,6 zuzyty wegiel pojemnikach w wyznaczonym . v L
o . , unieszkodliwienie
odpady aktywny miejscu w magazynie odpaddw L
w hali nowej galwanizerni.
Odpady powstaja
W tra.kC|e Odpady magazynowane w
wymiany .
Nasycone lub , szczelnych, zamykanych, opisanych
. - wktadow A . odzysk/
zuzyte zywice 19 09 05 1,5 L, pojemnikach w wyznaczonym . Lo
. . wymiennikow o . . unieszkodliwienie
jonowymienne L miejscu w magazynie odpaddéw L
jonitowych w . . . .
N - w hali nowej galwanizerni.
stacji uzdatniania
wody

11.3.2. Zrédta powstawania, podstawowy sktad chemiczny i wtasciwosci odpadéw

Tabela nr 10
Kod . . . PP .
Lp. odpadu Rodzaj odpadu Podstawowy sktad chemiczny i wtasciwosci odpadéw
Odpady niebezpieczne
Inne odoady zawieraiace Sktad chemiczny: otéw.
1. 11 0198* substanz'e \r:iebez iejcazne Wiasciwosci: odpad w postaci statej, barwy szarej, dziatajacy szkodliwie
) P na rozrodczo$¢ [HP10], ekotoksyczny [HP14].
Mineralne oleie silnikowe Sktad chemiczny: weglowodory ropopochodne, dodatki
. J . ! uszlachetniajgce, metale pochodzace z urzadzen, w ktérych olej jest
« | przektadniowe i smarowe . . L .
2. 130204 zawierajace zwigzki wykorzystywany (zelazo, miedz, chrom, aluminium), zwigzki
chlorowcoorganiczne chlorowcoorganiczne.
Wiasciwosci: odpad draznigcy [HP4], dziatajgcy szkodliwie na
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rozrodczos¢ [HP10], ekotoksyczny [HP14].

Mineralne oleje silnikowe,
przektadniowe i smarowe

Sktad chemiczny: weglowodory ropopochodne, dodatki
uszlachetniajace, metale pochodzace z urzadzen, w ktdrych olej jest

13 02 05* . N s wykorzystywany (zelazo, miedz, chrom, aluminium),
niezawierajgce zwigzkéw R - . o
chlorowcoorganicznvch Wiasciwosci: odpad draznigcy [HP4], dziatajacy szkodliwie na
g y rozrodczos¢ [HP10], ekotoksyczny [HP14].
Sktad chemiczny: tworzywa sztuczne (polimery modyfikowane
Opakowania zawierajgce syntetyczne lub naturalne oraz dodatki modyfikujgce), pozostatosci
15 01 10* pozostatosci substancji substancji niebezpiecznych, np. zwigzki chromu, chlorek baru, azot
niebezpiecznych lub nimi srebra, kwas solny, kwas siarkowy, kwas azotowy.
zanieczyszczone Wiasciwosci: odpad staty, draznigcy [HP4], zracy [HP8], dziatajacy
szkodliwie na rozrodczos¢ [HP10], ekotoksyczny [HP14].
Sorbenty, materiaty
filtracyjne (w tym filtry
olejowe nieujete w innych Sktad chemiczny: bawetna zanieczyszczona substancjami
15 02 02* grupach), tkaniny do ropopochodnymi.
wycierania (np.: szmaty, Wiasciwosci: odpad staty, draznigcy [HP4], dziatajacy szkodliwie na
Scierki) i ubrania ochronne rozrodczos$¢ [HP10], ekotoksyczny [HP14].
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zuiyte urzadzenia Sktad chemlczn.y: uz’algzm’ony.od rodzaju OdpadL.J kIa’szl.kowanego pod
. . . tym kodem. Zuzyte Swietléwki zbudowane s3 najczesciej ze szklanej rury
zawierajace niebezpieczne okrytej wewnatrz luminoforem wypetnionym wewnatrz parami rteci i
16 02 13* | elementy inne niz pokryte) a ) Yp v atrzp ¢
- argonu. Lampy fluorescencyjne ztozone sg ze szkta, metalu oraz
wymienione w 16 02 09 do . . o .
1602 12 luminoforu (pytu fluorescencyjnego) zawierajacego rtec.
Wiasciwosci: odpad staty, draznigcy [HP4], ekotoksyczny [HP14].
Sktad chemiczny: odczynniki i substancje chemiczne (przeterminowane)
. . . z galwanizerni i laboratorium, nie nadajace sie do dalszego uzytkowania,
Zuzyte nieorganiczne L s . s
s L takie jak np.: zwigzki chromu szesciowartosciowego, chlorek baru,
chemikalia zawierajace .
« L A azotan srebra, nadtlenek wodoru, kwas solny, kwas siarkowy, kwas
16 05 07 substancje niebezpieczne .
(np. przeterminowane azotowy itp.
odc'z nniki chemiczne) Wiasciwosci: odpad draznigcy [HP4], dziatajacy toksycznie na narzady
y docelowe [HP5], dziatajacy szkodliwie na rozrodczos¢ [HP10],
ekotoksyczny [HP14].
Zuzyte organiczne chemikalia
zawierajgce substancje . .
16 05 08* | niebezpieczne (np. SkIa(’:I f:her)'n.czny. kwas o.c’Fowy.
. . Wiasciwosci: odpad draznigcy [HP4].
przeterminowane odczynniki
chemiczne)
szlamy z:?wwjrajqce. Sktad chemiczny: wodorotlenki i sole niklu, miedzi, cynku, chromu.
substancje niebezpieczne z . . .. o .
« |- . . Wiasciwosci: odpad draznigcy [HP4], dziatajacy toksycznie na narzady
1908 13 innego niz biologiczne . L o
e docelowe [HP5], dziatajacy szkodliwie na rozrodczos¢ [HP10],
oczyszczania Sciekow
ekotoksyczny [HP14].
przemystowych
Odpady inne niz niebezpieczne
Sole i roztwory inne niz Sktad chemiczny: weglany, siarczany, siarczyny, chlorki.
0603 14 | wymienione w 06 03 11i 06 Wiasciwosci: odpad w postaci statej lub ptynnej. Barwa w zaleznosci od
0313 rodzaju soli.
Sktad chemiczny: gtéwnie stal (50% zawartosci), aluminium (10 — 30%)
Zuzyte urzadzenia inne niz oraz miedz i jej stopy (15 — 45%) oraz tworzywa sztuczne zawierajgce
1602 14 | wymienione w 16 02 09 do 16 | mieszanine réznych polimeréw oraz srodkéw powodujgcych niepalnosc.
02 13 Wiasciwosci: odpady staty, kolor przewazinie metaliczny lub szary,
bezwonny.
Sktad chemiczny: tworzywa sztuczne zawierajace mieszanine réznych
Elementy usuniete z zuzytych polimeréw oraz Srodkéw powodujgcych niepalnosc oraz toner — proszek
1602 16 | urzadzen inne niz o ztozonej budowie chemicznej stanowigcy mieszanine czastek

wymienione w 16 02 15

transportujgcych tadunki elektrostatyczne (zwigzki Fe) i czastek
czernigcych papier (sadza — zawierajaca znaczne ilosci wegla C) oraz
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barwnikéw.
Wiasciwosci: odpady staty, kolor przewazinie metaliczny lub szary,
bezwonny.
Zuzyte chemikalia inne niz Sktad chemiczny: chlorek sodu, weglan wapnia, kwas cytrynowy, tlenek
4. 16 0509 | wymienione w 16 05 06, wapnia.
16 05 07 lub 16 05 08 Wiasciwosci: odpad w postaci statej, sypkiej lub ptynej.
Szlamy z innego niz
biologiczne oczyszczania Sktad chemiczny: weglan wapnia, chlorek sodu.
5. 190814 | , . 7 . e g . .
sciekow przemystowych inne Wiasciwosci: odpad szlamowaty, barwy szarej, o specyficznym zapachu.
nizw 19 08 13
6. 190899 | Inne niewymienione odpady Sklac,i f:her:nl.czny: wegiel aktywny . .
Wiasciwosci: odpad szlamowaty, barwy szarej, o specyficznym zapachu.
Sktad chemiczny: zele lub substancje porowate (np. zywice syntetyczne
— kopoli fi Ideh inyl ; Zywi
Nasycone lub zuzyte zywice opolimery sty_renu, orma c!e yFI, monomet.*y winylowe; zyW|Fe
7. 190905 | . . naturalne — zeolity, montmorillonity, glaukonity, celuloza, wegiel
jonowymienne
aktywny).
Wiasciwosci: odpad staty.

11.3.3. Warunki przeciwpozarowe wynikajgce z operatu przeciwpozarowego

Tabela nr 11
Obliczone
Lp. Nazwa obiektu Warunki przeciwpozarowe obcigzenie ogniowe
[MJ/m?]
1. | Magazyn odpadéw A - —  Wymiary w rzucie — 6,2 m x 23,6 m, do 1000 MJ/m?
W nowym magazynie —  Wysokos¢ — ok. 4,5 m;
odpadéw , F” —  Kubatura — 658 m%
— Powierzchnia uzytkowa — 146 m?,
— Caly obiekt magazynowy PM,
— Powierzchnia strefy pozarowej — 146 m?,
— Klasa odpornosci pozarowe;j ,E”.
2. | Magazyn odpaddw L —  Wymiary w rzucie — 9,62 m x 10,1 m, do 500 MJ/m?

w budynku nowe;j hali -
galwanizerni _

Wysokos¢ — ok. 9,1 m;

Kubatura — 25530 m?;

— Powierzchnia uzytkowa — 96,39 m?,

— Catly obiekt magazynowy PM,

— Powierzchnia strefy pozarowej— 3 000 m?,
— Klasa odpornosci pozarowej ,E”.

Zaktad Oras Olesno Sp. z 0. 0 wyposazony jest w:

system sygnalizacji pozarowej,

urzadzenie oddymiajace (czes¢ produkcyjna zaktadu),

oswietlenie awaryjne,

hydranty wewnetrzne (obiekt administracyjno-biurowy przy Hali Montazu ,,B”, hala odlewni
i szlifiersko-polerska ,A” oraz hala obrébki ,,C”),

przeciwpozarowe wyfaczniki pradu,
gasnice proszkowe,
hydranty nadziemne.”
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lll.4. Warunki wprowadzania sciekéw do srodowiska

W wyniku prowadzenia proceséw technologicznych w zaktadzie powstajg scieki:

— zlinii galwanicznej w ilosci 33,90 m3/d;

— z procesu odciggania (kwasne) w ilosci 9,06 m3/d;

— z trawienia w kwasie siarkowym po lutowaniu (kwasne) — (od 1 stycznia 2024 r.) w ilosci
5,04 m3/d.

Powstajagce w wyniku funkcjonowania instalacji wymagajgcej pozwolenia zintegrowanego
Scieki technologiczne oraz scieki z instalacji pozostatej - z procesu wytrawiania i ptukania detali,
kierowane beda do zaktadowej oczyszczalni $ciekdéw przemystowych. Proces oczyszczania sciekéw
technologicznych realizowany bedzie w szeregu powigzanych ze sobg technologicznie zbiornikach
i urzadzeniach wchodzacych w sktad oczyszczalni $ciekéw. Scieki bedg oczyszczane w procesach

fizyko-chemicznych.

Oczyszczone $cieki przemystowe nalezy odprowadzac istniejgcym wylotem do ziemi - do Kanatu
Mtynoéwka (R-A-9), zlokalizowanym w km 2+226.
Wylot zlokalizowany jest dziatce nr 284, obreb Olesno, w lokalizacji wspétrzednych w ukfadzie
PL-ETRF 2 000: X: 5638445,8; Y: 6530093,0. Urzagdzenie wodne wykonane jest w formie betonowej

rury kanalizacyjnej o srednicy 250 mm, umocnione ptytg betonowg oraz kamiennym narzutem.

Dopuszczalna ilos¢ Sciekdw wprowadzanych do ziemi - do Kanatu Mtynéwka wylotem w km

2+226:

Qumax= 0,00055 m3/s;
Clmax h= 2 m3/h;
Qqq= 48 m?/d;

Quaxr= 12 480 m?2/rok,

o stanie i sktadzie nie przekraczajgcym parametrow:

Tabela nr 12
Lp. Parametr Wartosc
1. temperatura 35°C
2. odczyn 6,5+9,5 pH
3. Zawiesiny ogdlne 35 mg/I
4. | chzTe 125 mg 0,/I
5. BZTs 25 mg O,/I
6. Chlorki 1 000 mg Cl/I
7. Siarczany 500 mg SO,/I
8. Fosfor ogdlny 2mg P/
9. Zelazo ogdlne 10 mg Fe/I
10. | Séd 800 mg Na/I
11. | Potas 80 mg K/I
12. | Cynk 2 mgZn/l
13. | Nikiel 0,5 mg Ni/l
14. | Miedz 0,5 mg Cu/I
15. | Chrom*® 0,1mg Cr/I
16. | Chrom ogdlny 0,5 mg Cr/I
17. | Otéw 0,5 mg Pb/I
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Jako punkt kontrolny jakosci odprowadzanych oczyszczonych sciekdw do srodowiska ustala
sie studzienke potozong na wyjsciu Sciekdéw z hali produkcyjnej galwanizerni o wspodtrzednych
w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF 2 000 strefa 6 X= 56398222.3703; Y=6529950.0527.

Jako punkt kontrolny ilosci odprowadzanych oczyszczonych Sciekéw technologicznych
ustala sie licznik zlokalizowany w hali galwanizerni przy oczyszczalni Sciekdw galwanicznych.

Zaktad zobowigzany jest do:

— utrzymywania we wtasciwym stanie wylotu kanalizacji przemystowej oraz koryta odbiornika na
dtugosci 30 m ponizej wylotu;

— prowadzenia prawidtowej eksploatacji i przegladu urzadzen oczyszczajgcych Scieki;

— w przypadku zaistnienia awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia, Scieki nie beda
odprowadzane do czasu usuniecia awarii. Maksymalny dopuszczalny czas trwania awarii to 48
godzin. W trakcie wystgpienia awarii zostanie ograniczona badZ wstrzymana praca linii
technologicznej w celu zmniejszenia lub zatrzymania wytwarzania $ciekdw. Pojemnosc
zbiornikdw buforowych w przypadku awarii jest wystarczajgca na zgromadzenie sciekéw do
czasu usuniecia awarii — do 48 godzin.

Dopuszczalne warianty pracy instalacji

Nie przewiduje sie wariantowosci w funkcjonowaniu instalacji urzadzeA rozumianej jako
wykorzystywania ich do celéw innych niz zostaty zaprojektowane.

Maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania sie uzasadnionych technologicznie warunkow
eksploatacyjnych odbiegajacych od normalnych, w szczegdlnosci w przypadku rozruchu
i wytaczenia instalacji, a takze warunki lub parametry charakteryzujace prace instalacji,
okreslajagce, moment zakonczenia rozruchu i moment rozpoczecia wytaczania instalacji oraz
warunki wprowadzania do srodowiska substancji lub energii w takich przypadkach

Proces rozruchu i zatrzymania instalacji nie wymaga uzgodnienia innych warunkéw niz
w trakcie normalnej pracy instalacji.

Za moment zakonczenia rozruchu instalacji uwaza sie osiggniecie od 0% do 100% zaktadanej
wydajnosci godzinowej instalacji galwanicznego pokrywania mosigdzu oraz zatozonych
parametréw jakosci detali (100 % zaktadana wydajnosé godzinowa to proces pokrywania detali na
poziomie 10 belek z 6 zawieszkami z detalami do pokrycia kazda na 1 h). W trakcie rozruchu
zasilanie linii bedzie wifaczone, wanny procesowe, okoftoprocesowe i ptuczki napetnione,
parametry poszczegdlnych proceséw beda zachowane, system wentylacji mechanicznej bedzie
wiaczony.

Moment rozpoczecia wytgczania instalacji nastgpi przy spadku wydajnosci godzinowej
instalacji do 0% oraz :

— dla wylgczania okresowego instalacji z ewentualnym czesciowym oprdznieniem wanien
procesowych, okotoprocesowych i ptuczek, bez wytgczania zasilania, podtrzymanie
parametréw procesowych i pracy filtrow oraz systemu wentylacji mechanicznej;

— dla catkowitego wytgczenia instalacji z uzytku po wytgczeniu zasilania linii, opréznieniem
wszystkich wanien procesowych, okotoprocesowych i wanien ptuczacych, a nastepnie
wyfgczeniem systemu wentylacji mechanicznej.

Nastepnie przeprowadzone zostang: neutralizacja powstatych sciekéw, przekazanie odpadow
uprawnionym podmiotom, demontaz wanien i pozostatego sprzetu galwanicznego.
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Faza rozruchu badz wytgczenia nie wymaga uzgodnienia innych warunkéw niz w trakcie
normalnej pracy instalacji.

. Wymagane dziatania, w tym s$rodki techniczne majace na celu ograniczenie emisji,
w szczegollnosci sposoby osiggania wysokiego poziomu ochrony srodowiska jako catosci,
metody minimalizacji ilosci powstajacych odpadéw oraz sposoby ograniczania oddziatywan
transgranicznych

V.1. Rozwigzania zapewniajgce ochrone powietrza atmosferycznego

W celu ograniczenia emisji do powietrza z instalacji do powierzchniowej obrdbki metali
z wykorzystaniem procesow elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie catkowita objetos¢ wanien
procesowych wynosi 63,08 m3wdrozono nastepujgce $rodki techniczne:
- na linii galwanicznej oraz oczyszczalni $ciekdw zastosowano skruber o skutecznosci
oczyszczania na poziomie 99%;
- na linii odciggania niklu i chromu zastosowano skruber o skutecznosci oczyszczania na
poziomie 86,2%.

V.2. Sposoby zapobiegania powstawaniu odpaddw lub ograniczenia ilosci odpadéw i ich
negatywnego oddziatywania na srodowisko

— stosowanie urzadzen i materiatéw o wysokiej trwatosci i wydajnosci;

— kontrola procesu produkcyjnego;

— systematyczne kontrole, przeglady i modernizacje w celu niedopuszczenia do szybkiego zuzycia
urzadzen;

— zoptymalizowanie zakupdéw, co ogranicza ryzyko powstawania nadwyzek materiatdw oraz
stosowanie opakowan zbiorczych i zwrotnych;

— miejsca magazynowania odpaddw posiadajg szczelng, betonowg posadzke;

— wszystkie odpady niebezpieczne magazynowane sg w szczelnych, zamykanych pojemnikach;

— teren zaktadu, w tym miejsca magazynowania odpaddw, zabezpieczony jest przed dostepem
0s6b niepowotanych.

V.3. Rozwiazania zapewniajgce metody ochrony wod podziemnych i powierzchniowych

— instalacja zlokalizowana jest w hali, wyposazonej w chemoodporne wanny (wanna pod
oczyszczalnig sciekdw, wanna pod liniag odciggania, wanna pod linig pokrywania
galwanicznego) wychwytujgce wszelkie ewentualne wycieki z odprowadzeniem do zaktadowej
oczyszczalni sciekdw przemystowych;

— prowadzenie rejestru zuzycia wody, na potrzeby instalacji;

— wykorzystywane urzadzenia pomiarowe podlega¢ bedg statej kontroli, przeglagdom, a takze
biezgcej konserwacji w celu utrzymania nalezytego stanu technicznego;

— ograniczenie ilosci oraz zanieczyszczenia Sciekdw realizowane sg poprzez staty nadzér nad
procesem technologicznym i procesem oczyszczania Sciekdow, ktdre realizowane bedg wg scisle
okreslonych procedur;

— prowadzenie rejestru ilosci i jakosci Sciekdw technologicznych odprowadzanych do
Srodowiska;

— powstajgce Scieki technologiczne przed wprowadzeniem do odbiornika bedg oczyszczane
w zaktadowej oczyszczalni Sciekdw, oczyszczajgcej scieki w procesach fizyko-chemicznych;

— dbatos¢ o utrzymanie czystosci na odwadnianym terenie;
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VL.

VII.

— powstajgce osady sciekowe w oczyszczalni sciekéw przekazywane bedg do zagospodarowania
podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

V.4. Rozwiazania zapewniajgce ochrone przed hatasem

a) eksploatacja instalacji wewnatrz hali produkcyjnej przy zamknietych drzwiach i oknach;
b) wytgczanie silnikow pojazdéw w czasie postoju i roztadunku;

c) utrzymywanie wszystkich maszyn i urzadzen w dobrym stanie technicznym poprzez kontrole
i zapewnienie wysokiej sprawnosci dziatania.

V.5. Metody zapewnienia efektywnej gospodarki materiatowo surowcowej

— prowadzenie rejestru ilosci stosowanych substancji;

— czeste czyszczenie magazyndw materiatowych;

— zaktad dokonuje w sposéb racjonalny zakupu surowcow i surowcédw pomocniczych w celu
zapobiezenia nadmiernemu gromadzeniu surowcow lub ryzyku przeterminowania.

V.6. Instalacja nie powoduje transgranicznego oddziatywania na srodowisko

Sposoby zapewnienia efektywnego wykorzystania energii

Efektywna gospodarka energetyczna realizowana jest poprzez:
— monitoring zuzycia energii;

— stosowanie energooszczednego oswietlenia;

— prawidtowa eksploatacje budynkow;

— poprawe szczelnosci przewoddw i pomieszczen;

— wytaczanie urzadzen kiedy nie sg wykorzystywane.

Wymagania zapewniajgce ochrone gleby, ziemi i wéd gruntowych, w tym srodki majgce na celu
zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wdéd gruntowych oraz sposéb ich systematycznego
nadzorowania

Stosowane sposoby zapewniajgce ochrone gleby, ziemi i wéd gruntowych, w tym srodki majace
na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wdd gruntowych:
— Wanny procesowe do ptukania oraz suszenia wykonane sg z nastepujacych materiatéw:
e z polipropylenu — materiatu o wysokiej odpornosci chemicznej na kwasy, zasady,
rozpuszczalniki organiczne — wanny: 107-110, 113, 115-135, 153-156, 157/213, 233-234,
235, 236, 4, 10, 11, 2, 3, 5-9;
o z polietylenu — materiatu o wysokiej odpornosci chemicznej, wysokiej odpornosci na
gorgca wode i pare wodng, odpornosci na promienie UV — wanny: 147-153;
o zestali nierdzewnej—wanny 111, 112, 114, 214, 1;
o ze stali nierdzewnej z izolacjg — wanny suszace: 215, 216, 237;
— zapewnienie w tracie catego okresu uzytkowania instalacji:
« szczelnosci wszystkich elementdw instalacji;
« kontroli i nadzoru nad procesem;
« biezgcego usuwania usterek;
« stosowania sie do instrukcji uzytkowania, kart charakterystyki substancji i ich mieszanin,
przestrzegania zasad BHP;
— magazyn srodkdéw chemicznych jest dostosowanym do celu pomieszczeniem;
— stosowanie srodkéw na terenie zaktadu wykonuje wykwalifikowany personel;
— przeprowadzanie okresowych szkolen pracownikéw;
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VIII.

— zaktad ma opracowane i stosuje procedury oraz instrukcje postepowania ze srodkami
chemicznymi;

— pojemniki, w ktérych dostarczone sg srodki sg fabrycznie zamkniete, co uniemozliwia ich
wylanie, wykonane s z tworzyw sztucznych odpornych na dziatanie sktadnikéw substancji lub
mieszaniny;

— stosowane S$rodki magazynowane s3 w przeznaczonym do tego celu magazynie
Z nieprzepuszczalng betonowg posadzkg;

— magazyn srodkdéw zamykany jest na klucz, do ktérego dostep majg tylko uprawnione osoby;

— miejsca magazynowania sg oznaczane w celu tatwiejszej identyfikacji oraz w celu unikniecia
pomieszania;

— transport towaru wykonywany jest przez wykwalifikowany personel dostawcy z zachowaniem
wszelkich srodkow ostroznosci przed uszkodzeniem towaru;

— wytadowanie towaru nastepuje na utwardzonym terenie;

— puste pojemniki mogace by¢ zanieczyszczone substancjami chemicznymi przekazywane s3
uprawnionym odbiorcom.

Okresla sie nastepujgce sposoby nadzoru $rodkéw zapobiegania emisjom do gleby, ziemi i wéd

gruntowych:

— systematyczna kontrola i nadzér stanu technicznego i szczelnosci urzadzen technicznych
znajdujacych sie w instalacji,

— biezgca kontrola szczelnosci zbiornikéw, stanu posadzek w miejscach magazynowania
i stosowania substancji stwarzajacych ryzyko;

— natychmiastowe usuniecie wszystkich ewentualnych stwierdzonych nieprawidtowosci.

Zakres i sposéb monitorowania proceséw technologicznych, w tym pomiaru
i ewidencjonowania wielkosci emisji w zakresie, w jakim wykraczajag poza wymagania
ustawowe

VIII.1. Monitoring proceséw technologicznych

Monitorowanie proceséw technologicznych realizowane bedzie poprzez miesieczng ewidencje:

— zuzycia energii elektrycznej na podstawie zapiséw z licznika;

— zuzycia substancji i mieszanin chemicznych stosowanych w procesach galwanicznych
i oczyszczania $ciekdw;

— zuzycia wody na podstawie wskazan wodomierzy.

VIII.2. Monitoring emisji do powietrza

Emitory EGL-1 i ESL-2 wyposazone sg w krécce pomiarowe z gwintem wewnetrznym M64x4
usytuowane na prostym, wolnym od zaburzeh przeptywu odcinku kanatu, w miejscu
umozliwiajgcym tatwy dostep do umieszczenia urzadzen pomiarowych:

1) Emitor EGL-1

Kréciec pomiarowy zlokalizowany jest za skruberem, na pionowym odcinku przewodu
o przekroju d=1,3 m, przy czym:

- dtugosc¢ odcinka prostego przed kréécem pomiarowym wynosi: 6,5 m,

- dtugosc¢ odcinka prostego za kréécem pomiarowym wynosi: 2,6 m,

2) Emitor ESL-2

Kréciec pomiarowy zlokalizowany jest za skruberem, na pionowym odcinku przewodu
o przekroju d=0,4 m, przy czym:
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- dtugos¢ odcinka prostego przed kréécem pomiarowym wynosi: 2,0 m,
- dtugosc¢ odcinka prostego za kré¢cem pomiarowym wynosi: 0,8 m.

VIII.3. Monitoring ilosci wytwarzanych odpadow

llos¢ wytwarzanych odpaddéw bedzie okreslana wagowo na podstawie wskazan wagi znajdujacej
sie na terenie zaktadu.

VIIl.4. Monitoring ilosci wykorzystywanej wody

Zobowigzuje sie prowadzacego instalacje do prowadzenia monitoringu ilosci wykorzystywanej

wody i wody demineralizowanej na potrzeby instalacji.

llos¢ wykorzystywanej wody bedzie okreslana w nastepujgcy sposob:

a) llos¢ wykorzystywanej wody na potrzeby linii do pokrywania galwanicznego okreslana bedzie
za pomocy wskazan wodomierza zainstalowanego na przytaczu wody doprowadzonej do linii
galwanicznej;

b) llos¢ wykorzystywanej wody na potrzeby linii zdejmowania wadliwych powtok okreslana
bedzie za pomocg wskazarh wodomierza zainstalowanego na przytgczu wody doprowadzonej
do linii zdejmowania powtok;

c) ilos¢ wykorzystywanej wody demineralizowanej na potrzeby instalacji do powierzchniowej
obrébki okreslana bedzie za pomocg wskazan wodomierza zamontowanego na wyjsciu ze
zbiornika wody demineralizowanej na linie galwaniczna.

Zobowigzuje sie prowadzgcego instalacje do prowadzenia rejestru ilosci wykorzystywanej wody

i wody demineralizowanej na potrzeby ww. instalacji z odczytami dokonywanymi z czestotliwoscia

raz na miesigc.

VIIL.5. Monitoring ilosci i jakosci odprowadzanych sciekdw oraz usytuowanie stanowisk do
pomiaru ilosci i jakosci odprowadzanych sciekéw

1. Jako punkt kontrolny ilosci odprowadzanych sciekéw technologicznych ustala sie licznik
zlokalizowany w hali galwanizerni przy oczyszczalni sciekéw galwanicznych;

2. Jako punkt kontrolny jakosci odprowadzanych sciekdw technologicznych ustala sie studzienke
o wspoétrzednych: X: 5636822,3709; Y: 6529950,0527;

3. Zobowigzuje sie prowadzacego instalacje do prowadzenia dobowego rejestru ilosci sciekéw
technologicznych odprowadzanych do ziemi, na podstawie wskazan urzgdzenia okreslonego w
punkcie VIII.5.1 pozwolenia;

4. W przypadku awarii urzadzenia do pomiaru ilosci odprowadzanych sciekéw technologicznych,
ilos¢ odprowadzanych sciekdéw technologicznych nalezy okreslaé na podstawie ilosci
wykorzystywanej wody na potrzeby instalacji, z czestotliwoscig odczytéw wodomierzy raz na
dobe i odnotowywac w rejestrze;

5. Nalezy wykonywaé badania jakosci odprowadzanych $ciekéw do ziemi - do Kanatu Mtynéwka
(R-A-9) w zakresie wskaznikdw takich jak: temperatura; odczyn; zawiesina ogdlna; ChZT.,; BZTs;
chlorki; siarczany; fosfor ogdlny; zelazo ogdlne; séd; potas; cynk; nikiel; miedz; chrom*¢; chrom
ogélny; otdw; weglowodory ropopochodne — w okresie jednego roku od dnia wydania decyzji
z czestotliwoscig raz na miesigc. Po tym okresie badania jakosci odprowadzanych sciekéw
nalezy wykonywac z czestotliwoscig co najmniej raz na dwa miesigce.

6. Badania jakosci Sciekow wykonywaé zgodnie z metodykami okreslonymi w tabeli nr 13
pozwolenia.
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Tabelanr 13

Lp. Parametr Metodyka badan
1. Temperatura Termometria, pomiar in situ podczas pobierania prébki
2. Odczyn metoda potencjometryczna PN-EN ISO 10523
3. Zawiesiny ogdlne - metoda grawimetryczna (wagowa) PN-EN 87 lub
- filtracja przez membrane 0,45 um, suszenie w 105 °Ci wazenie
4. ChZT¢, metoda specyficzna PN-ISO 6060 lub PN-ISO 15705
5. BZT; metoda specyficzna PN-EN 1899-1 lub 1899-2
6. Chlorki - metoda objetosciowa (miareczkowa) PN-ISO 9297 lub
- chromatografia jonowa (IC) PN-EN ISO 10304-2 lub
- analiza przeptywowa (wstrzykowa) (CFA i FIA) PN-EN ISO 15682
7. Siarczany - metoda grawimetryczna (wagowa) PN-ISO 9280 lub
— chromatografia jonowa (IC) PN-EN I1SO 10304-2
8. Fosfor ogdlny - spektrometria absorpcyjna czgsteczkowa (fotokolorymetria),
mineralizacja przed oznaczeniem PN-EN I1SO 6878 lub
-atomowa spektrometria emisyjna z plazmg wzbudzong
indukcyjnie PN-EN 1SO 11885 lub
- spektrometria mas z plazmg wzbudzong indukcyjnie (ICP-MS) PN-
EN ISO 17294-2
9. Zelazo ogélne - absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA) z atomizacja
bezptomieniowg PN-EN ISO 15586 lub
- spektrofotometria absorpcyjna czasteczkowa (fotokolorymetria)
PN-I1SO 6332 lub
-atomowa spektrometria emisyjna z plazma wzbudzong
indukcyjnie PN-EN I1SO 11885
10. Séd - absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA) PN-ISO 9964-1, PN-
1SO 9964-1/Ak lub
- emisyjna spektroskopia ptomieniowa (ESP) PN-ISO 9964-3, PN-
1SO 9964-3/Ak lub
- chromatografia jonowa (IC) PN-EN 1SO 14911 lub
-atomowa spektrometria emisyjna z plazma wzbudzona
indukcyjnie PN-EN ISO 11885 lub
- spektrometria mas z plazmga wzbudzong indukcyjnie (ICP-MS) PN-
EN ISO 17294-2
11. Potas - absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA) PN-ISO 9964-2/Ak lub
- emisyjna spektroskopia ptomieniowa (ESP) PN-ISO 9964-3/Ak lub
— chromatografia jonowa (IC) PN-EN ISO 14911 lub
—atomowa spektrometria emisyjna z plazma wzbudzona
indukcyjnie PN-EN I1SO 11885
- spektrometria mas z plazmga wzbudzong indukcyjnie(ICP-MS) PN-
EN ISO 17294-2
12. Cynk - absorpcyjna  spektroskopia atomowa (ASA) z atomizacjg
bezptomieniowg PN-EN I1SO 15586 lub
- absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA) z atomizacja
ptomieniowa PN-ISO 8288 lub
-atomowa spektrometria emisyjna z plazmg wzbudzong
indukcyjnie PN —EN 1SO 11885 lub
- spektrometria mas z plazma wzbudzong indukcyjnie (ICP-MS) PN-
EN ISO 17294-2
13. Nikiel - absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA) z atomizacja
bezptomieniowg PN-EN I1SO 15586 lub
- absorpcyjna  spektroskopia atomowa (ASA)z atomizacjg
pfomieniowa PN-ISO 8288 lub
-atomowa spektrometria emisyjna z plazma wzbudzona
indukcyjnie PN-EN ISO 11885 lub
- spektrometria mas z plazmga wzbudzong indukcyjnie (ICP-MS) PN-
EN ISO 17294-2
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14. Miedz - absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA) z atomizacja
bezptomieniowg PN-EN I1SO 15586 lub

- absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA) z atomizacjg
ptomieniowa PN-ISO 8288 lub

-atomowa spektrometria emisyjna z plazma wzbudzona
indukcyjnie PN-EN ISO 11885 lub

- spektrometria mas z plazma wzbudzong indukcyjnie (ICP-MS) PN-
EN ISO 17294-2

15. Chrom 6 - spektrofotometria absorpcyjna czasteczkowa (fotokolorymetria)
PN-C-04604-8 lub

— chromatografia jonowa (IC) PN-EN 1SO 10304-3

16. Chrom ogélny - absorpcyjna  spektroskopia atomowa (ASA) z atomizacjg
bezptomieniowg PN-EN I1SO 15586 lub

- absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA) z atomizacja
ptomieniowa PN-EN 1233 lub

-atomowa spektrometria emisyjna z plazmg wzbudzong
indukcyjnie PN-EN ISO 11885 lub

- spektrometria mas z plazma wzbudzong indukcyjnie (ICP-MS) PN-
EN ISO 17294-2

17. Otow - absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA) z atomizacja
bezptomieniowg PN-EN ISO 15586 lub

- absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA) z atomizacjg
pfomieniowa PN-ISO 8288 lub

-atomowa spektrometria emisyjna z plazma wzbudzona
indukcyjnie PN-EN ISO 11885 lub

- spektrometria mas z plazma wzbudzong indukcyjnie (ICP-MS) PN-
EN ISO 17294-2

IX. Zakres, sposéb i termin przekazywania organowi wiasciwemu do wydania pozwolenia
i wojewoddzkiemu inspektorowi ochrony srodowiska corocznej informacji pozwalajacej na
przeprowadzenie oceny zgodnosci z warunkami okreslonymi w pozwoleniu, w zakresie nie
objetym przepisami art. 149 ustawy Prawo ochrony srodowiska

Nakfada sie na prowadzacego instalacje obowigzek przekazywania Marszatkowi Wojewoddztwa

Opolskiego i Opolskiemu Wojewddzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska w Opolu:

— sprawozdania z ilosci wykorzystywanej wody i wody demineralizowanej na potrzeby instalacji
wymagajgcej pozwolenia zintegrowanego, zgodnie z punktem VIIl.4. pozwolenia;

— sprawozdania z ilosci wytwarzanych odpadéw.

w terminie do 31 marca kazdego roku kalendarzowego.

Wyniki monitoringu pozostatych danych dotyczacych prowadzenia procesu technologicznego,
przechowywac przez okres 5 lat od daty ich wytworzenia i udostepnia¢ na zgdanie organowi
ochrony $rodowiska i organowi kontrolnemu.

X. Sposoby zapobiegania wystepowaniu i ograniczania skutkéw awarii oraz wymoég informowania
0 wystapieniu awarii

Zaktad, zgodnie z obecnie obowigzujgcym rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia
2016 r. w sprawie rodzajéw i iloSci substancji niebezpiecznych znajdujacych sie w zaktadzie,
decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystapienia
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XI.

powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138) nie jest zaktadem o zwiekszonym ryzyku
albo o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowe;j.

Metody zabezpieczenia Srodowiska przed skutkami awarii:

— prowadzenie planowanej gospodarki remontowe] obiektéw i konserwacji urzadzen;

— zapobieganie sytuacjom awaryjnym;

— posiadanie planu na wypadek awarii i nieprzewidzianych emisji opracowanego w ramach
wdrozonego Zintegrowanego Systemu Zarzadzania, obejmujgcego procedury i instrukcje:

o procedury awaryjne na wypadek wycieku chemikaliéw lub oleju,

o procedure szczegdtowego sposobu postepowania na wypadek pozaru,

» procedure awaryjnego postepowania na wypadek rozszczelnienia instalacji gazowej,

» procedure awaryjnego postepowania na wypadek zaniku energii elektrycznej,

o procedury awaryjnego postepowania na wypadek awarii lub wytaczenia wentylacji
mechanicznej — w opracowaniu szczegdétowym,

o procedure postepowania na wypadek awarii oczyszczalni sciekéw technologicznych —
W opracowaniu szczegétowym,

o wytyczne dotyczgce korzystania z magazyndéw chemicznych,

« inspekcje stanu oraz szczelnosci zbiornikéw i wanien wychwytowych,

e sposéb postepowania w wypadku rozszczelnienia zbiornikdw i rurociggéw czy innych
elementdéw instalacji,

» harmonogramy przeglagdu stanu technicznego urzadzen technicznych oraz stuzgcych
ochronie srodowiska,

e wytyczne dotyczgce zarzgdzania odpadami,

« instrukcje dotyczgce zarzadzania i postepowania z chemikaliami niebezpiecznymi,

o instrukcja neutralizacji $ciekdw pogalwanicznych i polutowniczych — w opracowaniu
szczegbtowym,

» identyfikacje odpowiedniego sprzetu i regularne sprawdzanie, czy jest on dostepny
i w dobrym stanie technicznym,

e upewnienie sie, ze pracownicy sig zapoznani odnosnie ochrony $rodowiska oraz
bezpieczenstwa pracy i przeszkoleni na wypadek wyciekdéw i wypadkow,

» identyfikacje rél i obowigzkéw oséb powigzanych wraz ze sposobem informowania
0 awariach,

e pomiary srodowiska pracy zgodnie z harmonogramem i obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami poprzez system zgtaszania zagrozen przez pracownikéw,

— magazynowanie substancji niebezpiecznych i ich mieszanin w pomieszczeniach
magazynowych, wyposazonych w zabezpieczenia przed mozliwoscig przedostania sie do
Srodowiska substancji niebezpiecznych w sytuacji ewentualnych rozlewdw czy rozsypow;

— magazynowanie substancji w miejscach zabezpieczonych przed mozliwoscia migracji
zanieczyszczen do ziemi i wéd podziemnych;

— zapewnienie efektywnej gospodarki materiatowo-surowcowej;

— prowadzenie cyklicznych szkolen w zakresie stosowania substancji niebezpiecznych.

Sposoby postepowania w przypadku zakonczenia eksploatacji instalacji, w tym sposoby
usuniecia negatywnych skutkéw powstatych w srodowisku w wyniku prowadzonej eksploatacji,
gdy sq one przewidywane

Obecnie prowadzacy nie przewiduje zakoniczenia pracy instalacji.
W przypadku zaistnienia koniecznosci zakonczenia eksploatacji instalacji, zostanie ona
przeprowadzona w warunkach pefnego zabezpieczenia sSrodowiska. Wszystkie obiekty

30



Xil.

i urzadzenia bedj zlikwidowane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcego prawa w szczegdlnosci

prawa budowlanego i prawa ochrony srodowiska.

Opracowany zostanie projekt likwidacji obiektow i urzadzen potozonych na terenie zaktadu.

Projekt likwidacji bedzie poprzedzony wykonaniem stosownych analiz, okreslajgcych wptyw

likwidowanych obiektéw i urzadzen na srodowisko, ktore pozwolg wskazac¢ sposoby dalszego

uzytkowania terenu, wraz ze sposobem zagospodarowania terenu, wynikajgcym z przepisow

w zakresie gospodarki odpadami.

W czasie likwidacji instalacji podjete zostang nastepujgce dziatania techniczne i operacyjne:

—  opracowanie planu likwidacji z uwzglednieniem znaczacych aspektow Srodowiskowych;

— uzyskanie pozwolen na rozbiodrki, ktére wskazg konkretne rozwigzania zabezpieczajgce
Srodowisko przed zanieczyszczeniem, zgodnie z przepisami ochrony Srodowiska i prawa
budowlanego obowigzujgcego w momencie podjecia likwidacji;

— w ramach dziatan technicznych w pierwszej kolejnosci nalezy przewidzie¢ oprdznienie
wanien procesowych i przekazanie wszystkich substancji znajdujacych sie w zaktadzie do
zagospodarowania podmiotom posiadajgcym odpowiednie uprawnienia;

— demontaz instalacji wszystkich urzagdzen wchodzacych w jej sktad.

Roboty budowlane zwigzane z likwidacjg bedg odbywaty sie ze szczegdétowym planem

i harmonogramem. Ewentualna likwidacja zaktadu bedzie polegata na demontazu urzadzen

technicznych, ktére ze wzgledu na stan techniczny bedg dalej uzywane lub ztomowane oraz na

pracach rozbiérkowych. Istniejgca infrastruktura techniczna zostanie rozebrana, a uzyskane

w tym procesie materiaty zostang wykorzystane przy innych budowach. Pewne elementy

zabudowy bedg réwniez wywozone na skfadowisko odpaddéw, do odzysku i recyklingu, do

unieszkodliwiania przez firmy posiadajgce stosowne uprawnienia w tym zakresie. W przypadku
dziatan zwigzanych z rozbidrka przedmiotowego obiektu, nalezy spodziewac sie powstawania
znacznych ilosci typowych odpadéw budowlanych, metali zelaznych, tworzyw sztucznych oraz
odpadow zuzytej infrastruktury technicznej. Firma zajmujgca sie generalnym wykonawstwem
robot zwigzanych z ewentualng likwidacjg inwestycji bedzie odpowiedzialna za wytworzone

odpady. Wytworzone odpady zostang przekazane podmiotom posiadajgcym stosowne decyzje w

zakresie odzysku badz unieszkodliwiania odpaddéw. Na terenie placu budowy zostanie wyznaczone

miejsce do czasowego magazynowania odpaddow. Miejsce to bedzie oznaczone, odpady beda

gromadzone selektywnie w kontenerach. Odpady niebezpieczne bedg magazynowane w

szczelnym pojemniku na utwardzonym podtozu.

Dziatania Zaktadu zmierzajgce do ograniczania wptywu na srodowisko na etapie likwidacji polegac

bedg na:

— monitorowaniu oddziatywania na Srodowisko;

— kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materiatdw oraz uporzgdkowaniu miejsc
sktadowania po zakonczeniu robdt;

— monitorowaniu prawidtowego przebiegu prac;

— kontroli prowadzonych prac pod katem przestrzegania przepisdéw bhp i ochrony srodowiska,
zgodnosci z planem likwidacji oraz uzyskanymi pozwoleniami na rozbiérke, prawidtowego
zorganizowania zaplecza technicznego, prawidlowego magazynowania odpaddw,
prawidtowego gospodarowania odpadami, ruchu pojazdéw na terenie obiektu i transportu
ciezarowego, demontazu i przywrdceniu stanu poprzedniego.

Po zakonczeniu eksploatacji instalacji sporzadzony bedzie raport koncowy o stanie

zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego.

Pozwolenie jest wydane na czas nie oznaczony.
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Uzasadnienie

Pan Marek Benedykcinski, dziatajgc z upowaznienia Oras Olesno Sp. 0.0. pismem z 21 lipca
2022 r. bez numeru (data wptywu do UMWO - 25.07.2022 r.), ztozyt wniosek o wydanie pozwolenia
zintegrowanego dla instalacji do powierzchniowej obrébki metali z wykorzystaniem proceséw
elektrolitycznych i chemicznych, gdzie catkowita pojemnos$¢ wanien procesowych przekracza 30 m3,
zlokalizowanej w Olesnie przy ul. Lesnej 2.

Do wniosku dotagczono opracowanie pn. ,Uzupetnienie wniosku o wydanie pozwolenia
zintegrowanego dla instalacji do powierzchniowej obrébki metali lub materiatéw z tworzyw
sztucznych z wykorzystaniem proceséw elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie catkowita
pojemnos¢ wanien procesowych przekracza 30 m3”, opracowany przez EKO-PROJEKT Sp. z 0.0 S.k.
w lipcu 2022 r. wraz z zapisem na elektronicznym nosniku danych — ptyta CD. Ponadto w przestanym
whniosku przy pismie z 21 lipca 2022 r. bez numeru zwrdcono sie o dotgczenie do niniejszego
postepowania dokumentacji z postepowania znak DOS-RPS.7222.33.2022.AKa.

Uwzgledniajac wniosek Strony ztozony przy pismie z 21 lipca 2022 r. bez numeru, Marszatek
Wojewddztwa postanowieniem z dnia 8 wrzesnia 2022 r. nr DOS-RPS.7222.54.2022.AKa wtaczyt do
postepowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do
powierzchniowe] obrdébki metali z wykorzystaniem proceséw elektrolitycznych lub chemicznych,
gdzie catkowita objetos¢ wanien procesowych przekracza 30 m3 materiat dowodowy. Do
prowadzonego postepowania dofgczono:

— 2 egzemplarze opracowania pn. ,Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji
do powierzchniowej obrdbki metali lub materiatéw z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem
procesow elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie catkowita objetos¢ wanien procesowych
przekracza 30 m3”, opracowany przez EKO-PROJEKT Sp. z 0.0. S.K. w maju 2022 r.,

— 2 egzemplarze opracowania pn. ,Analiza ryzyka zanieczyszczenia ziemi i woéd gruntowych do
whniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do powierzchniowej obrébki
metali lub materiatéw z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem proceséw elektrolitycznych lub
chemicznych, gdzie catkowita pojemnosé wanien procesowych, przekracza 30 m3”, opracowany
przez EKO-PROJEKT Sp. z 0.0. S.K. w maju 2022 r.,

— 2 egzemplarze opracowania pn. ,Zafaczniki do analizy ryzyka zanieczyszczenia ziemi i wéd
gruntowych do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do
powierzchniowej obrébki metali lub materiatéw z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem
proceséw elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie catkowita pojemnos¢ wanien procesowych,
przekracza 30 m3”, opracowany przez EKO-PROJEKT Sp. z 0.0. S.K. w maju 2022 r.,

— kopie operatu przeciwpozarowego, opracowanego przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych, opracowanego przez mgr. inz. Piotra Swiercza, w pazdzierniku 2021 r.,
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem przez upowaznionego pracownika prowadzgcego
postepowanie,

— kopie postanowienia Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej w Olesnie z dnia 15 pazdziernika
2021 r. nr PZ.5585.9.2021 uzgadniajgce spetnienie przez operat przeciwpozarowy warunkéw
ochrony przeciwpozarowej dla obiektu przeznaczonego na dziatalno$¢ w zakresie
magazynowania odpadéw w Oras Olesno Sp. z o0.0., potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem
przez upowaznionego pracownika prowadzgcego postepowanie,

— dowdd wptaty optaty rejestracyjnej,

— dowdd wptaty optaty skarbowej od wydania decyzji - udzielenia pozwolenia zintegrowanego,

— zatgcznik graficzny — stanowigcy mape zasiegu inwestycji - Budowa hali galwanizerni oraz
tacznika, sporzgdzonego przez EKO-PROJEKT,
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— uproszczony wypis z rejestru gruntow dla dziatki 284, obreb ewidencyjny: 160803 4.0068,
Olesno,

— dokument potwierdzajacy, ze wnioskodawca jest uprawniony do wystepowania w obrocie
prawnym — wydruku informacji odpowiadajacej odpisowi aktualnemu z Rejestru
Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000071400 sporzgdzony na dzien
25.04.2022 .

Organem ochrony Srodowiska wtasciwym do wydania pozwolenia zintegrowanego dla
nowej instalacji do powierzchniowej obrdbki metali lub materiatéw z tworzyw sztucznych
z wykorzystaniem proceséw elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie catkowita pojemos¢ wanien
procesowych przekracza 30 m3w mysl przepisu art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony srodowiska
— zwanej dalej ustawg Pos, w zwigzku z §2 ust. 1 pkt 15 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz U.
z 2019 r. poz. 1839) oraz z uwagi na wifasciwos¢ miejscowq jest Marszatek Wojewddztwa
Opolskiego.

Whioskodawca przedtozyt do wniosku dowdd uiszczenia optaty rejestracyjnej wniesionej na
wyodrebniony rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej, w kwocie 2 011,00 zt, przez co wypetnit formalny warunek konieczny do rozpatrzenia
whniosku o udzielenie pozwolenia zintegrowanego, okreslony w art. 210 ustawy Prawo ochrony
srodowiska. Do wniosku zatgczono rowniez potwierdzenie uiszczenia optaty skarbowej od
pozwolenia.

Majgc na wzgledzie dyspozycje zawartg w art. 209 ustawy Pos, organ przy pismie
z 8 sierpnia 2022 r. nr DOS-RPS.7222.54.2022.AKa przekazat Ministrowi Klimatu i Srodowiska, za
pomocg Srodkéw komunikacji elektronicznej (ePUAP), wniosek w postaci elektronicznej o wydanie
pozwolenia zintegrowanego.

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. k tiret pierwszy ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z péin. zm.)
dane dotyczgce wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego zamieszczono 17 sierpnia 2022 r.
w publicznie dostepnym wykazie, tj. na stronach internetowych Ekoportalu (karta 279/2022).

Z uwagi na fakt, ze wniosek o wydanie pozwolenia nie spetniat wymogéw formalnych
okreélonych w ustawie Po$, organ pismem z 17 sierpnia 2022 r. nr DOS-RPS.7222.54.2022.AKa,
wezwat petnomocnika zaktadu Pana Marka Benedykcinskiego do uzupetnienia wniosku w zakresie:

— przedtozenia oryginatu lub urzedowo poswiadczonego odpisu petnomocnictwa do
wystepowania w imieniu Spoétki Oras Olesno wraz z dowodem uiszczenia optaty skarbowej od
udzielonego petnomocnictwa;

— propozycji konkretnych metodyk, zgodnie z ktérymi wykonywane bedg pomiary emisji gazow i
pytéw do powietrza, zgodnie z art. 221 ust. 2 pkt 2 ustawy Pos.

Pismem 2z 25 sierpnia 2022 r. bez numeru (data wptywu do UMWO 1.09.2022 r.)
petnomocnik zaktadu przedtozyt stosowne uzupetnienie do wniosku w ww. zakresie.

Majac na wzgledzie fakt, ze po uzupetnieniu wniosek spetniat wymagania formalne,
0 wszczeciu postepowania pismem z 8 wrzeénia 2022 r. nr DOS-RPS.7222.54.2022.AKa organ
zawiadomit petnomocnika wnioskodawcy, jednoczesnie informujgc o uprawnieniach strony,
dotyczacych mozliwosci czynnego udziatu w kazdym stadium postepowania, wynikajgcych z art. 10
i art. 73 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego — zwanej dalej Kpa.

Zgodnie z dyspozycjg zawartg w art. 218 ustawy Po$ obowigzkiem organu wydajgcego
decyzje udzielajgcg pozwolenia zintegrowanego dla nowej instalacji jest zapewnienie mozliwosci
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udziatu spoteczeristwa w postepowaniu. Wobec czego podano do publicznej wiadomosci
informacje o wszczeciu postepowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji
do powierzchniowej obrébki metali z wykorzystaniem proceséow elektrolitycznych lub chemicznych,
gdzie catkowita objeto$¢ wanien procesowych przekracza 30 m3, zlokalizowanej na terenie Oras
Olesno Sp. z 0.0. i 0 mozliwosci sktadania w przedmiotowej sprawie uwag i wnioskow, w terminie
30 dni od daty ukazania sie ogtoszenia. Informacje powyzszg zamieszczono na tablicy ogtoszen w
siedzibie UMWO (13 wrzes$nia 2022 r.), w dzienniku Nowa Trybuna Opolska (19 wrzesnia 2022 r.),
na tablicy ogtoszen Urzedu Miejskiego w Olesnie (15 wrzesnia 2022 r.) oraz na stronie internetowej
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Opolskiego (13
wrzesnia 2022 r.). W ustawowym okresie 30 dni od dni od daty podania ww. informacji do
publicznej wiadomosci, do organu nie wptynety zadne uwagi i wnioski dotyczgce postepowania w
sprawie wydania przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego.

Z uwagi na fakt, ze wniosek wymagat dalszych uzupetnien organ pismamiz 19 wrzesnia 2022
r., 21 listopada 2022 r. i 3 lutego 2023 r. nr DOS-RPS.7222.54.2022.AKa wezwat petnomocnika
whnioskodawcy do uzupetnienia. Stosownych uzupetnien dokonano przy pismach z 27 pazdziernika
2022 r. bez numeru (data wptywu do UMWO - 28 pazdziernika 2022 r.), z 16 grudnia 2022 r. bez
numeru (data wptywu do UMWO - 19 grudnia 2022 r.) i pisma z 6 marca 2023 r. bez numeru (data
wptywu do UMWO - 8 marca 2023 r.).

Majac na wzgledzie art. 183c ust. 2 ustawy Pos, organ zwrdcit sie pismem z 8 listopada 2022
r. nr DOS-RPS$.7222.54.2022.AKa do Komendanta Powiatowego Parstwowe] Strazy Pozarnej w
Olesnie o przeprowadzenie kontroli przedmiotowej instalacji, w tym miejsc magazynowania,
w zakresie spetnienia wymagan okreslonych w przepisach dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej
oraz w zakresie zgodnosci z warunkami ochrony przeciwpozarowej ustalonymi w przedtozonym
whniosku, operacie przeciwpozarowym oraz postanowieniu Komendanta Powiatowego Panstwowej
Strazy Pozarnej w Olesnie nr PZ.5585.9.2021 z 15 pazdziernika 2021 r., przesytajgc réwnoczesnie
wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z art. 183c ust. 2 ustawy Po$ (wniosek o wydanie
pozwolenia zintegrowanego, operat przeciwpozarowy, postanowienie Komendanta Powiatowego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Olesnie oraz uzupetnienie wniosku przedtozone w toku
postepowania).

Komendant Powiatowy Panstwowej Strazy Pozarnej w Olesnie, przy piSmie z dnia
21 listopada 2022 r. nr PZ.52805.6.2022 przekazat postanowienie z 21 listopada 2022 r.
nr PZ.82805.6.2022 (data wptywu do UMWO 21 listopada 2021 r.), pozytywnie opiniujace
spetnienie wymagan okreslonych w przepisach dotyczacych ochrony przeciwpozarowej oraz
w zakresie zgodnosci z warunkami ochrony przeciwpozarowej opisanymi w operacie
przeciwpozarowym zatwierdzonym postanowieniem Komendanta Powiatowego Panstwowej
Strazy Pozarnej w Oles$nie nr PZ.5585.9.2021 z dnia 15 pazdziernika 2021 r.

Zgodnie z art. 185 ust. 1a ustawy Po$, w przedmiotowym postepowaniu administracyjnym
zakonczonym wydaniem niniejszej decyzji, Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, jest
strong w postepowaniu z uwagi na fakt, ze w przedmiotowym postepowaniu zawnioskowano o
ustalenie warunkéw wprowadzania Sciekéw do ziemi.

Wobec powyiszego, organ pismem z 23 listopada 2022 r. nr DOS-RPS.7222.54.2022.AKa
zawiadomit Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej w Gliwicach, o wszczeciu postepowania w przedmiotowej sprawie jednoczesnie informujgc
0 uprawnieniach strony, dotyczacych mozliwosci czynnego udziatu w kazdym stadium
postepowania, wynikajacych z art. 10 i art. 73 ustawy Kpa. W wyznaczonym terminie nie ztozono
zadnych uwag ani wnioskéw w sprawie.

34



Pismem z 11 stycznia 2023 r. nr DOS-RPS.7222.54.2022.AKa, organ zawiadomit
petnomocnika wnioskodawcy o koniecznosci przeprowadzenia ogledzin przedmiotowej instalacji w
zwigzku z ubieganiem sie o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji. W
dniu 26 stycznia 2023 r. na terenie przedmiotowe] instalacji zostaty przeprowadzone ogledziny,
zakonczone protokotem.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kpa, organ zapewniajgc Stronom czynny udziat
w postepowaniu oraz dajac mozliwos¢ do wypowiedzenia sie co do zebranych dowoddéw
i materiatéw, pismem z 21 marca 2023 r. nr DOS-RPS.7222.54.2022.AKa zawiadomit petnomocnika
whnioskodawcy oraz Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody polskie Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej w Gliwicach o zakonczeniu postepowania dowodowego. Jednoczesnie poinformowat
o mozliwosci zapoznania sie z catoscig dokumentacji zgromadzonej w sprawie przez okres 7 dni od
dnia doreczenia zawiadomienia. Strony w ww. terminie nie wniosty uwag.

Po analizie wniosku wraz z zataczonymi do niego dokumentami i uzupetnieniami organ
uznat, ze wniosek jest kompletny i moze stanowié¢ podstawe do udzielenia, zgodnie z przepisami
art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 188 ust. 1, ust. 2, ust. 2b, ust. 3, ust. 5, art. 201 ust. 1, art.
202 ust. 1, ust. 4, art. 211 ust. 1, ust. 6, art. 224 ust. 1, ust. 2 i art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy Prawo
ochrony srodowiska, pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do powierzchniowej obrébki metali
lub materiatéw ztworzyw sztucznych z wykorzystaniem proceséw elektrolitycznych lub
chemicznych, gdzie catkowita pojemnos¢ wanien procesowych wynosi 63,08 m3.

Niniejsze pozwolenie wydano w terminie przewidzianym w art. 209 ust. 2 ustawy Prawo
ochrony srodowiska, tj. w terminie 6 miesiecy od dnia ztozenia wniosku, odliczajgc od tego terminu
okresy opdznien w zatatwieniu sprawy, spowodowane uzupetnieniami wniosku.

Podstawg do udzielenia niniejszego pozwolenia zintegrowanego dla wyzej wymienionej

instalacji jest wykazanie, ze:

- eksploatacja instalacji nie bedzie powodowaé przekroczern wartosci odniesienia substancji
w powietrzu poza terenem, do ktdrego prowadzacy te instalacje posiada tytut prawny,

- sposdb gospodarowania odpadami nie powoduje zagrozenia dla zdrowia, zycia ludzi i dla
Srodowiska,

- instalacja nie powoduje transgranicznego oddziatywania na tereny panstw sgsiadujgcych
z Polska,

- instalacja nie powoduje przekroczen dopuszczalnych pozioméw hatasu w sSrodowisku, na
terenach podlegajgcych ochronie, potozonych w rejonie oddziatywania Zaktadu.

Dla przedmiotowej instalacji wnioskodawca Oras Olesno Sp. z o.0. uzyskata decyzje
Burmistrza Olesna z dnia 8 kwietnia 2021 r. nr Z.111.6220.17.2020 okreslajgcg $Srodowiskowe
uwarunkowania dla przedsiewziecia pod nazwg ,,Rozbudowa Zaktadu Oras Olesno poprzez budowe:
1. hali produkcyjno-magazynowej dla potrzeb galwanizerni, z cze$cig socjalng, 2. hali produkcyjno-
magazynowej dla potrzeb szlifierni i polerni oraz towarzyszacej infrastruktury w miejscowosci
Olesno” planowanego do realizacji na dziatkach nr 509, 510, obreb Olesno.

Wypetniajagc obowigzek wynikajacy z art. 208 ust. 2 pkt 4a ustawy Prawo ochrony
Srodowiska wnioskujacy przedtozyt dokument pod nazwa: , Analiza ryzyka zanieczyszczenia ziemi i
wod gruntowych do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego”, opracowany przez EKO-
PROJEKT w maju 2022 .

W analizie tej dokonano charakterystyki srodowiskowej terenu, na ktérym zlokalizowany
jest zaktad. Zidentyfikowano substancje powodujgce ryzyko, wykorzystywane, produkowane
i uwalniane przez instalacje, ktérych wystepowanie jest spodziewane ze wzgledu na dziatalnos¢
planowang na danym terenie. W analizie wykazano, ze w wyniku wykorzystywania i uwalniania
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istotnych substancji powodujgcych ryzyko na terenie Zaktadu, nie istnieje ryzyko zanieczyszczenia
powierzchni ziemi i wéd gruntowych. Po analizie powyzszych kwestii organ stwierdzit, ze brak jest
podstaw do sporzadzenia raportu poczgtkowego.

Dodatkowo nalezy wyjasnié, ze zaktad przedtozyt do postepowania administracyjnego
zakonczonego decyzjg z 26 lutego 2016 r. nr D0OS.7222.55.2015.MSu (postepowania dotyczacego
zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do wtérnego wytopu mosigdzu o zdolnosci
produkcyjnej 65,04 Mg/dobe), dokumentacje pn. ,,Sprawozdanie o stanie zanieczyszczenia gruntow
i wod podziemnych dla terenéw nalezgcych do Oras Olesno Sp. z 0.0.”, opracowanego w czerwcu
2015 r., ktéry to dokument zostat uznany za raport poczgtkowy. W sprawozdaniu tym
zidentyfikowano substancje powodujgce potencjalne ryzyko zanieczyszczenia gleby i wadd
gruntowych, wykorzystywanych przez instalacje wymagajgce pozwolenia zintegrowanego,
potozone na terenie Oras Olesno Sp. z 0.0.. Dokonano réwniez analizy historycznego zakresu
prowadzonej dziatalnosci w obrebie zaktadu, analizy rodzaju i czasu aktualnie prowadzonej
dziatalnosci. W oparciu o zgromadzone dane Spdtka dokonata analizy jakosci Srodowiska
glebowego, poprzez pobdr prébek gleby i ziemi na obszarze, na ktéorym mogag wystepowac
zanieczyszczenia z warstwy przypowierzchniowej. Badania gleby dokonano w o$smiu otworach
badawczych. Wyniki wykazaty, ze w jednym otworze badawczym metale ciezkie, tj. miedz i cynk,
przekraczajg dopuszczalne wartosci.

W zwigzku z powyzszym w sprawozdaniu zaproponowano monitoring w zakresie oceny
stopnia zanieczyszczenia gleby, ziemi i wod gruntowych, substancjami powodujgcymi ryzyko.
Zaproponowany monitoring zostat uwzgledniony przez Marszatka Wojewddztwa Opolskiego i
zobowigzano Zaktad do prowadzenia monitoringu Srodowiska w zakresie: prowadzenia badan
zanieczyszczenia gleby i ziemi substancjami powodujgcymi ryzyko oraz do prowadzenia pomiaréw
zawartosci substancji w wodach gruntowych — obowigzek ten zostat natozony na Spotke decyzjg
Marszatka Wojewddztwa Opolskiego z 26 lutego 2016 r. nr D0S.7222.55.2015.MSu zmieniajacy
pozwolenie zintegrowane udzielone decyzjg z 6 maja 2009 r. nr DOS.III-AK-7636-32/08 (wraz z
pdzZniejszymi zmianami).

We whniosku oraz zatgczonych do wniosku dokumentach przedfozonych organowi do
niniejszego postepowania wykazano, ze instalacja objeta niniejszym pozwoleniem, zgodnie z
zapisami art. 204 ust. 2 oraz art. 207 ust. 1 i ust. 1a ustawy Pos, bedzie spetnia¢ wymagania
najlepszej dostepnej techniki oraz nie bedzie powodowac przekroczen standarddow jakosci
srodowiska.

Z uwagi na fakt, ze dla przedmiotowej dziatalnosci nie zostaty opublikowane konkluzje BAT,
oceny dotrzymywania najlepszych dostepnych technik dokonano na podstawie opracowania pn.
»Najlepsze dostepne Techniki (BAT). Wytyczne dla powierzchniowej obrébki metali i tworzyw
sztucznych.” Warszawa — styczen 2009 r.

Sposdb spetniania tych wymagan przez instalacje eksploatowanej przez Spoétke
przedstawiono w ponizszej tabeli:

Wymogi najlepszych dostepnych technik (BAT)
Wytyczne dla powierzchniowej obrébki metali i tworzyw Sposob spetniania wymogow przez instalacje
sztucznych BAT

WYMAGANIA OGOLNE

System zarzadzania sSrodowiskowego

wprowadzenie systemu zarzadzania Srodowiskowego (EMS) | — prowadzacy instalacje posiada wdrozone elementy
Stosowanie i rozwdj czystych technologii produkcyjnych zarzadzania  Srodowiskowego i stosuje procedury
minimalizacja liczby brakow postepowania podczas wszystkich proceséw
optymalizacja dziatania instalacji, stosowanie technologicznych prowadzonych w zaktadzie;
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poréwnawczych wartosci wskaznikowych (tzw.
benchmarks) zuzycia energii, wody i surowcéw
minimalizacja liczby brakow

wdrozenie programu operacji porzadkowych i
konserwacyjnych, zawierajgcego szkolenie i dziatania
prewencyjne pracownikow w celu zminimalizowania
specyficznych zagrozen srodowiskowych

— prowadzone

— zastosowane w procesach technologicznych substancje

charakteryzowac sie bedg niskim stopniem szkodliwosci
zarowno dla zdrowia i zycia ludzi, jak i s$rodowiska,
stosowana technologia charakteryzowaé sie bedzie niska
emisyjnoscia;
ryzyko zanieczyszczenia Srodowiska bedzie minimalizowato
zastosowanie:

e posadzki chemoodpornej;

o zbiornikdw posredniczacych
dziatajacych jako bufor $ciekdw;

e tac wychwytowych znajdujacych sie pod wannami
procesowymi;

e Scistego nadzoru nad procesem dzieki doswiadczonej i

odpowiedzialnej obstudze;

minimalizacji ilosci magazynowanych substancji;

zastosowanie czujnikow umozliwiajagcych doktadne i

ekonomiczne  wykorzystanie $Srodkéw  chemicznych

przeznaczonych do neutralizacji sciekdw poprzez doktadne

okreslenie punktow korica reakcji (sondy pH-metryczne i

redoksymetryczne);

o Scistej kontroli sciekow;

e zywic jonowymiennych do dokfadnego usuwania
pozostatosci niezwigzanych w procesie neutralizacji metali
i reszt anionowych;

e wanien wychwytowych dla magazynowania wszelkiego
rodzaju kanistréw i zbiornikéw DPPL;

e wentylacji szczelinowych na wannach galwanicznych w
celu wychwytu oparéw wydobywajacych sie z wanien i
kierowania ich do skruberow;

e instalowanie zaworéw odcinajagcych na  wszystkich

rurociggach, co ma stuzy¢ dodatkowemu zabezpieczeniu w

przypadku uszkodzenia fragmentu orurowania;

statej wizualnej kontroli szczelnosci wszystkich urzadzen

zbiornikowych i rurociggéw;

e urzagdzen alarmowych we wszystkich zbiornikach i
wannach, ktére groza przepetnieniem w postaci
wielostopniowych czujnikéw poziomu;

e zabezpieczenia proceduralnego

niewtasciwych chemikaliow;

rozdzielenia substancji chemicznych o odmiennym
charakterze (kwasy/zasady, utleniacze/reduktory);

o identyfikacji substancji szczegdlnie niebezpiecznych;

ustalenia przeznaczenia terenu i budynkéw zajmowanych

przez instalacje juz na etapie projektowania;

e przechowywania substancji do uzupetniania kapieli
procesowych w miejscach wyznaczonych w okreslonych
ilosciach;

e stosowanie zasady FIFO w celu minimalizacji ryzyka
uzywania  przeterminowanych  chemikaliow  oraz
generowania odpaddéw stanowigcych przeterminowane
substancje;

transmisji Sciekow

przed uzyciem

procesy technologiczne zostang
zoptymalizowane w sposéb  gwarantujacy  zuzycie
surowcéw i medidw oraz energii w ilosciach wytgcznie
niezbednych do prowadzenia procesu, ilos¢ zuzywanych
surowcow produkcyjnych, medidw i energii elektrycznej
bedzie monitorowana i rejestrowana na biezgco. Wartosci
wskaznikowe beda podawane w przeliczeniu na jednostke
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obrabianej powierzchni (m?2). Ewentualne odchylenia od
wartosci wskaznikowych beda okresowo analizowane i
korygowane;

optymalizacja  warunkéw  prowadzonego procesu
technologicznego, polegajgca na zminimalizowaniu liczby
brakéw - realizacja proceséw przy petnym zatadunku
materiatéw poddawanych obrébce. W zaktadzie wdrozony
jest System Zarzadzania Jakoscia wg normy ISO 9001,
ktérym objety zostanie przedmiotowy obszar produkcyjny;
prowadzacy instalacje wdrozy i stosowat bedzie program
operacji porzadkowych i konserwacyjnych, zawierajacy
szkolenie i dziatania pracownikéw, co zminimalizuje
potencjalne zagrozenia dla srodowiska.

Projektowanie i budowa nowych instalacji oraz ich eksploatacja

Zaprojektowanie linii  technologicznych w  sposdb
zapobiegajacy niekontrolowanej emisji zanieczyszczenn do
srodowiska;

Bezpieczne magazynowanie i sktadowanie materiatow;
Hermetyzacja proceséw lub linii technologicznych;
Zapobieganie degradacji wyrobdw przed i po obrdébce
powierzchniowej;

Uwzglednienie ewentualnego zdania terenu na etapie
projektowania lub modernizacji instalacji

— zapobieganie niekontrolowanej emisji zanieczyszczenn do

Srodowiska podczas projektowania linii zostato zapewnione

poprzez:

o zidentyfikowanie zrédet zanieczyszczenia;

e odpowiednie dla planowanego procesu zwymiarowanie
linii oraz wanien procesowych i innych urzadzen
zbiornikowych;

e dobdr odpowiednich do stosowanych substancji
chemicznych materiatdw do uszczelnienia posadzki,
zapewnienie spadkéw, poziomu posadzki w obszarach
wydzielonych przegrodami w kierunku kratek/linii
Sciekowych prowadzacych podposadzkowym systemem
kanalizacji technologicznej do oczyszczalni sciekow;

e umieszczenie wanien procesowych z roztworami o
szczegdlnym zagrozeniu dla Srodowiska w szczelnych
wannach bezodptywowych zapobiegajacych
negatywnym skutkom mieszania sie roztworéw w
przypadku awarii wanien przeciekow itp. (2 sekcje: Scieki
zawierajgce chrom i pozostate);

e dokonanie witasciwego rozdziatu Sciekéw z linii na 6

rodzajow, utatwiajacego ich neutralizacje,
zwiekszajgcego efekt oczyszczania i ufatwiajacego
minimalizacje zuzycia reagentéw;

e stworzenie  systemu  alarmowego identyfikacji
przeciekéw, kontroli i planu postepowania w

przypadkach awarii i nagtych wypadkow;

e stosowanie pojemnikéw (tac) do zbierania awaryjnych
przeciekéw oleju z systeméw hydraulicznych instalacji;

o wykonanie izolacji termicznej ogrzewanych wanien
procesowych,

e uwzglednienie w projekcie zbiornikow,
wykorzystywanych do przepompowania kapieli podczas
ich regeneracji lub awarii wanny procesowej (zapasowe
DPPL, zbiornik rezerwowy do kapieli chromowej,
zbiornik rezerwowy do kapieli niklowej);

bezpieczne magazynowanie substancji chemicznych zostato

zapewnione poprzez:

e przechowywanie kwaséw i zasad oddzielnie;

e oddzielne przechowywanie palnych i utleniajacych
materiatéw chemicznych;

e oddzielne przechowywanie materiatéw chemicznych
statych i ptynnych;

e zabezpieczenie przed rozlewaniem i wyciekami
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substancji chemicznych - zastosowanie wanien
wychwytowych dla jednego rodzaju chemikaliow.
Wielkos¢ wanien dostosowana do istniejgcych
przepisow BHP;

e weryfikacje jakosci dostaw, w tym stanu pojemnikéw z
substancjami w stanie statym i ciektym ;

e zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym i
korozyjnym pojemnikéw magazynowych, instalacji
przesytowych i kontrolnych;

¢ unikanie przelewania substancji ciektych, odsypywania
preparatow statych w miejscach sktadowania (w
przypadku stosowania duzych ilosci substancji
chemicznych ciektych). Dostarczanie w mauzerach i
korzystanie bez przelewania,

nie jest wymagana hermetyzacja zaréwno catego procesu,
jak i poszczegdlnych jego etapdéw. Pomiedzy chemicznym
procesem przygotowania powierzchni i wtasciwym etapem
nanoszenia powtok galwanicznych nie wystepuje etap
posredni w postaci suszenia, czy tez odrebnego pozbywania
sie zanieczyszczen z powierzchni wyrobéw. Wszelkie
zanieczyszczenia z powierzchni detali po procesie
przygotowania powierzchni usuwane s3 na drodze
ptukania. Zaréwno procesy przygotowania powierzchni, jak
rowniez niklowania/chromowania oparte sg na roztworach
wodnych (nie nastepuje zmiana $rodowiska reakcji), co
eliminuje konieczno$¢ osuszania wyrobow pomiedzy
procesami;

detale po procesach mechanicznej obrébki
powierzchniowej nie sg podatne na degradacje. Mosigdz -

materiat  bazowy w  warunkach  naturalnych i

niezabezpieczony warstwg ochronng samodzielnie ulega

pasywacji tworzac ochronng warstwe na jego powierzchni.

Pasywacja moze zosta¢ usunieta na drodze odttuszczania

oraz aktywacji powierzchniowej podczas dekapowania.
Jednakze po procesie polerowania na powierzchni detali
pozostaje warstwa pasty/emulsji polerskiej, ktéra przy
dtuzszym sktadowaniu twardnieje, co znacznie utrudnia
poziniejsze oczyszczenie chemiczne podfoza. W tym
przypadku stosowanie metody FIFO oraz racjonalnego
planowania  produkcji  znacznie  zmniejsza  ryzyko
pozostawania pasty na powierzchni wyrobéw. Natomiast
podczas galwanizowania wyrobow pomiedzy etapem
przygotowania powierzchni a witasciwym nanoszeniem
powtok zostang zastosowane stosunkowo krotkie czasy
ptukania, odcieku, aby mosigdz nie ulegt wtérnej pasywacji,
w ramach planowania produkcji przestrzegana bedzie
zasada minimalizacji  czasu pomiedzy  obrdbka
powierzchniowg i wysytkg wyrobéw do dalszego etapu
produkcji (montazu),

opakowania i warunki sktadowania wyrobéw na kazdym
etapie produkcji s3 dostosowane do potrzeb ich jakosci,
podjecie dziatan naprawczych dla potencjalnego skazenia
wad gruntowych lub gleby;

Minimalizacja strat kapieli technologicznych przez wnoszenie i wynoszenie, technologia ptukania i odzysk surowcéw

— stosowanie dostepnych metod minimalizacji wnoszenia i
wynoszenia kapieli zwigzanych z rodzajem pokrywanych
wyrobdéw oraz z rodzajem i sktadem kapieli,

— stosowanie dostepnych metod minimalizacji wynoszenia

— zastosowana w zaktadzie technologia oraz konstrukcja

wyrobow i sposdb prowadzenia procesu, bedzie zapewniac
minimalizacje wnoszenia i wynoszenia kapieli zwigzanych z
rodzajem pokrywanych wyrobéw oraz z rodzajem i sktadem
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kapieli zwigzanych z warunkami pracy, a zwlaszcza z
operowaniem zawieszkami i bebnami;

— stosowanie skutecznych i ekonomicznych metod ptukania
umozliwiajagcych  dobre  wyptukanie  wyrobdw  przy
oszczednym zuzyciu wody i bezposrednim odzysku kapieli
technologicznych;

—w uzasadnionych technicznie przypadkach stosowanie
odzysku kapieli technologicznych i ich sktadnikéw przy uzyciu
metod wymiany jonowej, elektrochemicznych,
membranowych lub/i wyparnych

kapieli poprzez Scisle okreslone poszczegdlne etapy procesu

technologicznego —  monitoring  proceséow  oraz

rejestrowanie parametrow pracy;

zapewnienie  minimalizacji strat roztworéw przez

wynoszenie bedzie zapewnione poprzez:

e otwory znajdujgce sie w wyrobach majace réwniez
funkcje otworow technologicznych, umozliwiajacych
fatwiejsze usuniecie zawartosci kapieli z wnetrza detalu;

e utrzymywanie minimalnych, lecz optymalnych stezen
substancji w kapielach, przez co wynoszona bedzie
mniejsza ilos¢ sktadnikéw kapieli - stosowanie statego
monitoringu stezen kapieli w laboratorium chemicznym;

e zastosowanie Srodkéw powierzchniowo czynnych
zmniejszajacych napiecie powierzchniowe roztwordw,
przez co utatwione zostanie usuwanie kapieli z
powierzchni wyrobow;

zastosowana w zaktadzie technologia, bedzie zapewniac
minimalizacje wynoszenia kapieli zwigzanych z warunkami
pracy, a zwilaszcza z projektowaniem i operowaniem
zawieszkami poprzez Scisle okreslone poszczegdlne etapy
procesu technologicznego — monitoring procesdw oraz
rejestrowanie parametrow pracy;

w zakresie konstrukcji zawieszek galwanizerskich oraz ich

uzytkowania przestrzegane beda nastepujgce zasady:

e zapewnienie odpowiedniego stosunku
prad/pokrywana powierzchnia w procesie
elektrolitycznym (kontrola systemowa programem
sterujacym);

e zapewnienie odpowiedniego kontaktu pragdowego
pomiedzy detalem a zawieszka przy jednoczesnym
stabilnym utrzymywaniu detalu bez mozliwosci jego
usuniecia podczas transportu zawieszek pomiedzy
wannami procesowymi oraz w wyniku ruchu szyny czy
mieszania powietrzem;

e zapewnienie regularnej regeneracji zawieszek.
Monitorowanie stanu jakosci zawieszek
galwanicznych, szczegdlnie pod katem degradacji
warstwy izolujgcej i powstawania ewentualnych
"kieszeni" mogacych przenosi¢ znaczne ilosci kapieli;

¢ unikanie tworzenia narostéw "dendrytéw" na
powierzchni zawieszek, ktore zwiekszajg powierzchnie
roboczg pokrywanych elementéw i sprzyjajacych
wynoszeniu kgpieli;

e zapewnienie zawieszenia detali "pod skosem", aby
utatwié¢ wyptywanie kapieli z wnetrza. Unikanie
umieszczania detali w sposéb umozliwiajgcy
powstawanie "kieszeni" utatwiajgcych wynoszenie
kapieli;

e zapewnienie wiasciwego rozmieszczania wyrobdéw na
zawieszce tak, aby z wyrobdw zawieszonych wyzej
roztwor nie sptywat na wyroby nizej zawieszone;

e zawieszanie wyrobéw w sposéb umozliwiajgcy
punktowy sptyw roztworu (w rogu wyrobu), a nie
liniowy (na krawedzi wyrobu) stosowanie izolacji o
wtasnosciach hydrofobowych;

e optymalizacja czasu opuszczania/podnoszenia
zawieszek z detalami do wanien oraz odcieku
pomiedzy procesami. Tam, gdzie jest to mozliwe
nastgpi wydtuzenie czasu w celu uzyskania
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minimalnego wynoszenia kapieli przy jednoczesnym
zachowaniu odpowiedniej jakosci uzyskiwanych
powtok i niezwtocznym przenoszeniu zawieszek do
nastepnej wanny;

— zastosowana w zaktadzie technologia ptukania odbywac sie
bedzie w sposéb skuteczny i jednoczesnie oszczedzajgcy
wode poprzez zastosowanie gtownie ptuczek kaskadowych,
wodo oszczednych urzadzen oraz monitoring i rejestracje
parametréw proceséw technologicznych i zuzycia energii,
surowcow i mediow,

— ptukanie kaskadowe bedzie dodatkowo wspomagane przez
system natryskowy znajdujacy sie w Il i Ill wannie w obrebie
tego samego systemu kaskadowego. Medium do ptukania
natryskowego bedzie pochodzito z wnetrza wanny, przez co
osiggniety zostanie wyzszy stopien oczyszczenia podtoza przy
Znacznym ograniczeniu zuzycia S$wiezej wody technologiczne;j;

— w niektdrych przypadkach uzaleznionych od ksztattu wyrobu
zastosowane zostanie wielokrotne ptukanie zanurzeniowe w
obrebie tej samej wanny ptuczacej, w szczegdlnosci na etapie

przygotowania powierzchni przed wifasciwym etapem
galwanizowania;
Oszczednosc energii, wody i innych surowcow
— stosowanie mieszania kapieli technologicznych w czasie ich |- optymalizacja proceséw technologicznych  zapewni

pracy. Uzywanie do tego celu hydraulicznej turbulencji
kapieli lub mieszania mechanicznego przez poruszanie
pokrywanym wyrobem jest przyktadem rozwigzania
spetniajgcego wymagania BAT. Dopuszcza sie réwniez
stosowanie do tego celu sprezonego powietrza, zwtaszcza w
tych przypadkach, w ktorych poruszanie szyng katodowg
moze powodowaé zwiekszenie liczby brakow lub byc
niewskazane z innych wzgledéw technologicznych;
stosowanie metod racjonalnego i oszczednego zuzycia
energii do ogrzewania kapieli technologicznych;
stosowanie metod racjonalnego i oszczednego zuzycia
energii do chtodzenia kapieli technologicznych;

Stosowanie innych mozliwosci zmniejszenia zuzycia energii;
stosowanie metod racjonalnego i oszczednego zuzycia wody
i innych surowcow, a zwtaszcza recyrkulacji lub
wielokrotnego uzycia wody ptuczacej

racjonalne i oszczedne zuzycie energii do ogrzewania kapieli
technologicznych, zuzycie energii bedzie monitorowane i
rejestrowane;

— w technologii stosowane beda dwa rodzaje mieszania
kapieli technologicznych w czasie ich pracy:

* mieszanie mechaniczne przez poruszanie szyng
katodowg z pokrywanymi wyrobami,

® mieszanie sprezonym powietrzem generowanym przez
sprezarki niskocisnieniowe (dmuchawy
niskocisnieniowe);

— kapiele technologiczne bedg ogrzewane za pomoca
wezownic zasilanych gorgcg wodg, podgrzewanej w
kottowni gazowej. Poziom kapieli w wannach bedzie
kontrolowany poprzez stosowanie urzadzen alarmowych
we wszystkich zbiornikach i wannach, ktére groig
przepetnieniem w postaci wielostopniowych czujnikéw
poziomu;

— temperatury kapieli beda utrzymywane na poziomach
niezbednych dla prowadzonych w nich procesach
technologicznych. Temperatura kapieli bedzie mierzona
przy pomocy czujnikdéw elektronicznych i utrzymywana na
zadanym poziomie zakresu pracy przez elektroniczne
regulatory temperatury;

— zapewniony bedzie optymalny sktad kapieli i ustalony
zakres ich pracy poprzez regularng kontrole stezen
sktadnikéw kapieli w laboratorium;

— system odciggu powietrza znad powierzchni kapieli bedzie
wyposazony w wentylator z mozliwoscia dostosowania
predkosci obrotowej w zaleznosci od trybu pracy linii —
(praca/czuwanie);

— ponadto w celu zminimalizowania strat energetycznych
ogrzewanych roztworéw zastosowano system odzysku
ciepta z odciggu oparéw z wanien technologicznych i
wykorzystania go do podgrzewania hali produkcyjnej;

— zastosowana zostanie izolacja termiczna wanien: pfuczki
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gorgcej nr 214, kapieli odttuszczajacych 111, 112, 114,
suszarek 215, 216 i 237. Izolacja ta nie bedzie utrudniata
obserwacji i wizualnej kontroli szczelnosci wanien;

— temperatura ogrzewanych kapieli bedzie mierzona
automatycznie przy pomocy czujnikéw elektronicznych i
utrzymywana na zadanym poziomie przez elektroniczne
regulatory temperatury;

— chtodzenie kapieli technologicznych dla wanien 147 i 148
(kapiele chromowe) bedzie prowadzone za pomoca wody
cyrkulujacej w zamknietym obiegu agregatu wody
chtodniczej;

— wszystkie urzadzenia
tréjfazowym;

— prewencji konserwacja uktadéw elektrycznych zasilajacych
wanny technologiczne jest przeprowadzana zgodnie z
zaleceniami producenta urzadzen a jej wyniki s3
rejestrowane w systemie CMMS;

— w celu zmniejszania spadkéw napiecia na przewodach
zasilajgcych jeden raz w roku beda przeprowadzane
pomiary rezystancji przewodéw elektrycznych;

— stosowane bedg prostowniki najnowoczesniejsze dostepne
obecnie na rynku;

— prowadzenie procesu bedzie powodowato  brak
koniecznosci wykorzystywania modyfikacji stosowanego
pradu (prad okresowo zmienny, prad pulsujgcy);

— energia w zakfadzie jest zakupiona w statej cenie dla kazdej
godziny/doby — stad prace szczegdlnie energochtonne nie
sg aktualnie prowadzone w okresach poboru tarnszej energii
elektrycznej. W celu zmniejszenia zuzycia energii
pochodzacej ze spalania wegla planuje sie budowe farmy
fotowoltaicznej;

— zapewniona bedzie optymalizacja wydajnosci pradowe;j
kapieli technologicznych poprzez utrzymywanie
odpowiedniego skfadu elektrolitdw majacego wptyw na ich
przewodnictwo elektryczne, niskiego stezenia
zanieczyszczen metalicznych w kapielach do chromowania i
niklowania;

— woda zuzywana bedzie w sposdéb racjonalny, w ilosciach
wymaganych do prowadzenia procesu technologicznego,
zuzycie energii bedzie monitorowane i rejestrowane

instalacji bedg zasilane pradem

WYMAGANIA SZCZEGOtOWE

Substytucja i ograniczanie substancji toksycznych

— jedna z podstawowych zasad BAT jest stosowanie substancji o
mozliwie matej toksycznosci. Przyktady:

- stosowanie zamiennikdw EDTA i innych zwigzkéw o silnym
dziataniu kompleksotwdrczym,

- stosowanie zamiennikéw PFOS i innych toksycznych
zwigzkéw powierzchniowoczynnych,

- ograniczanie stosowania cyjankow. Stosowanie
odttuszczania w kapielach, zawierajacych cyjanki jest
przyktadem rozwigzania nie spetniajgcego wymagan BAT,

- eliminowanie stosowania kadmu i kapieli do kadmowania,

- w przypadkach uzasadnionych technicznie ograniczanie
stosowania chromowania w roztworach chromu Cr(VI),
zwtaszcza do chromowania dekoracyjnego,

- stosowanie kapieli do chromowania o mozliwie jak
najmniejszym stezeniu,

- minimalizacja emisji zanieczyszczen lotnych z operacji

— EDTA i inne zwigzki chelatujgce bedg wyeliminowane z kapieli
do odttuszczania, zdejmowania powifok, chemicznego
niklowania i innych. Stosowane bedg substytuty o stabszym
dziataniu chelatujacym;

— PFOS i inne toksyczne zwigzki powierzchniowo czynne,
cyjanki i kadm nie beda stosowane w procesach;

— stosowanie chromowania dekoracyjnego w roztworach
chromu Cr (V1) przeprowadzane jest tylko na wyrobach, gdzie
powierzchnia detali musi spetni¢ wizualne wymagania
klienta. Tam, gdzie takie wymaganie pokrycia dekoracyjnego
nie musi by¢ spetnione, detale nie sg chromowane;

—w przysztosci przewidziane jest uruchomienie technologii
niezawierajacej zwigzkéw Cr(VI), na linii zaplanowane sa
puste miejsca/wanny na uruchomienie alternatywnej
technologii;

—stezenie chromu chromowania

Cr(VI) w procesie
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chromowania.

- ograniczanie stosowania powtok konwersyjnych
(pasywacja) opartych na chromie Cr(VI) na korzy$¢ powtok
opartych na chromie Cr(lll) lub bezchromowych

dekoracyjnego oraz temperatura kapieli bedg utrzymywane
na mozliwie niskich poziomach, ale takich, ktére zapewnia
wymagang minimalng (wymagang normami dla wyrobéw
armatury sanitarnej) grubos¢ naktadanej powtoki chromowej
w ilosciach okreslonych stosowang technologig;

— minimalizacja emisji zanieczyszczen lotnych z operacji
chromowania zostanie osiggnieta poprzez zastosowanie
zwigzkdw powierzchniowo czynnych (produkt Atotech
Fumetrol 21), ktére tworzagc na powierzchni kapieli
chromowej, gesta warstwe piany, bardzo mocno ograniczaja
emisje zwigzkéw zawierajgcych CrVI. Ewentualne minimalnie
powstajgce opary bedg odciggane przez wyciag szczelinowy
znajdujacy sie wzdituz wanien galwanicznych. Opary beda
pochtaniane i neutralizowane przez skrubery;

—w obecnie planowanej technologii nie wystepujg zadne
powtoki konwersyjne;

—ze wzgledéw technologicznych i ekonomicznych nie ma
aktualnie mozliwosci zastosowania nowoczesnych metod
mechanicznego przygotowania powierzchni;
do odttuszczania nie beda stosowane rozpuszczalniki
organiczne typu tréjchloroetylen i czterochloroetylen. Do
wtasciwego odttuszczania powierzchni wyrobéw beda
stosowane alkaliczne roztwory wodne zawierajagce w swoim
sktadzie gtéwnie wodorotlenek sodu, srodki wspomagajgce
prace kapieli oraz $rodki wydtuzajgce okres uzytkowania
kapieli, ale jednoczesnie rozpuszczalne w wodzie (m.in.
srodki zwilzajace). W celu eliminacji rozpuszczalnikéw
organicznych i jednoczesnego utrzymania odpowiedniego
stopnia oczyszczania powierzchni wyrobdéw - procesy
odttuszczania beda wspomagane poprzez dziatanie
ultradzwiekéw, procesy elektrochemiczne, czy tez
mechaniczne ptukanie zanurzeniowe wielokrotne

Regeneracja i konserwacja kapieli technologicznych

— Dziatania w kierunku przedtuzania okresu uzytkowania kapieli

technologicznych przy zachowaniu ich wtasciwej skutecznosci
jest przyktadem rozwigzan spetniajacych wymagania BAT

— Szczegdlne znaczenie ma regeneracja i whasciwa konserwacja

alkalicznych kapieli do odttuszczania (np. przez usuwanie
olejéw i ttuszczdw), do trawienia metali i do fosforanowania
W przypadkach uzasadnionych ekonomicznie
wykorzystywanie ciepta wtasnego kapieli do chromowania
(proces egzotermiczny) do jej czesciowego odparowania i
intensyfikacji bezposredniego odzysku jej sktadnikow

W przypadkach uzasadnionych ekonomicznie
wykorzystywanie ciepta wtasnego zuzytych roztworéw do
uszczelniania powtok tlenkowych (anodowych) na aluminium
do ogrzewania nowych roztwordow uszczelniajacych oraz
odzyskiwanie roztwordéw do trawienia aluminium
Stosowanie zamknietego obiegu wody ptuczacej po
anodowaniu aluminium przez jej ciaggte oczyszczanie i
recyrkulacje poprzez jonity nie spetnia wymagan BAT,
poniewaz usuwane zanieczyszczenia wywierajg taki sam
niekorzystny wptyw na srodowisko, jak chemikalia uzywane
do okresowej regeneracji jonitow.

— prowadzacy instalacje bedzie prowadzit dziatania w kierunku
przedtuzania okresu uzytkowania kapieli technologicznych
poprzez stosowanie wtasciwych dziatan organizacyjnych,
takich jak: Sciste przestrzeganie procedur produkcyjnych,
racjonalne gospodarowanie surowcami oraz stata kontrola
procesu technologicznego poprzez systematyczne
pobieranie prébek kapieli i sprawdzanie ich parametréow w
laboratorium kontroli jakosci;

— prowadzacy instalacje bedzie prowadzit dziatania majace na
celu konserwacje alkalicznych kapieli do odttuszczania, do
trawienia metali, np. poprzez usuwanie powierzchniowych
zanieczyszczen w procesie trawienia i odttuszczania z
zastosowaniem odpowiednich kapieli odttuszczajacych
wykorzystujgcych  preparaty chemiczne.  Utrzymanie
odpowiedniej czystosci kapieli bedzie mozliwe dzieki filtrom
przektadkowym/$wiecowym pracujagcym w systemie ciggtym
usuwajacym powstajgce w trakcie procesu zanieczyszczenia

Scieki

stosowanie zasad minimalizacji zuzycia wody do ptukania
oraz ilosci i obcigzenia powstajgcych sciekow;

— nieusuwanie do $ciekdw roztworéw stezonych w sposéb

—ilo$¢ zuzywanej wody bedzie monitorowana i zuzywana
wytgcznie w ilosci niezbednej do prowadzenia procesu
technologicznego, co wptynie na minimalizacje ilosci
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utrudniajacy przebieg oczyszczania sciekdw i przestrzeganie
pojemnosci roboczej oczyszczalni Sciekdw;

— Stosowanie zasad wtasciwego rozdziatu sciekow;

— Oczyszczanie $ciekdw ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na
usuwanie cyjankéw, chromu Cr(VI), azotanow (l11) (dawna
nazwa azotyny) oraz olejow i ttuszczéw;

— W razie potrzeby usuwanie ze sciekdw niektérych anionéw
w celu spetnienia lokalnych limitéw emisyjnych;

— wytracanie i usuwanie ze sciekdw metali w zakresie pH
optymalnym dla sktadu Sciekow

Sciekow. llos¢ dostarczanej wody ptuczacej bedzie $cisle
monitorowana i dostosowywana do wielkosci produkc;ji;

w procesie gromadzenia $ciekdw unikane bedzie
jednorazowe odprowadzanie do sciekow wiekszych ilosci
roztworow stezonych, ktére to beda gromadzone i w
okreslonych minimalnych ilosciach i dozowane do s$ciekow
rozcienczonych tak, aby nie przekroczy¢ roboczej
pojemnosci oczyszczalni sciekow;

w procesie oczyszczalnia Sciekow roztwory alkaliczne nie
bedg uzywane do neutralizacji roztworéw kwasnych i
odwrotnie. Do neutralizacji sciekow beda wykorzystywane
tylko i wytagcznie $rodki chemiczne przeznaczone do tego
celu;

w wiekszosci przypadkéw roztwory przeznaczone do
neutralizacji Sciekdbw nie beda podlegaty wstepnemu
rozcienczeniu, a bedg uzytkowane w bezpiecznych do
stosowania stezeniach, aby nie spowodowad znacznego
zwiekszania objetosci tgcznej Sciekdw;

oczyszczanie $ciekdw bedzie nastepowato w miejscu ich
powstawania, z wifasciwym rozdziatem poszczegdlnych
strumieni Sciekéw, tak by mogly zosta¢ skutecznie
0Czyszczone;

proces oczyszczania $ciekdw (w tym rodzajéw i stezenia
Sciekow doptywajacych) bedzie scisle zdefiniowany,
monitorowany i odbywat sie bedzie wg zoptymalizowanego
procesu oczyszczania. Wymiany kapieli odttuszczajacych i
trawigcych bedg odbywaty sie wg S$cistego uprzednio
ustalonego harmonogramu wymian, dzieki czemu nie
wystapi ryzyko utrudnienia przebiegu procesu oczyszczania
Sciekow;

ze wzgledu na réiny charakter $ciekdw powstajacych
podczas galwanizowania elementéw mosieznych konieczne
jestich rozdzielenie na poszczegdlne partie (Scieki alkaliczne,
Scieki kwasne, S$cieki zawierajgce chrom (VI)). Dzieki
wstepnemu rozdzieleniu $ciekéw i indywidualnej obrdébce
kazdej szarzy sciekdw mozliwe jest znaczne obnizenie ilosci i
kosztéw stosowanych reagentéw (reagenty nie bedg
stosowane w nadmiarze, a w ilosci niezbednej do
przeprowadzenia neutralizacji). Oddzielenie  $ciekdow
chromowych bedzie dodatkowo sprzyjalo mniejszemu
zuzyciu kwasu solnego wykorzystywanego do wstepnego
ustalenia pH przed wifasciwym procesem redukcji. Przy
redukcji chromu (V1) do chromu (l1l) najszersze zastosowanie
znalazta metoda w wykorzystaniem wodorosiarczanu (V)
sodu w srodowisku kwasnym (pH ok.2). Dalsza obrébka tych
Sciekdw polega na wytrgcaniu wodorotlenku chromu Cr(lll).
Doprowadzenie pH do wartosci dopuszczalnej odbywac sie
bedzie poprzez zastosowanie wodorotlenku sodu oraz
wodorotlenku wapnia znanego jako mleko wapienne;
usuwanie olejow i ttuszczéw pozostatych na powierzchni
detali po procesach mechanicznego przygotowania
powierzchni (w szczegdlnosci polerowania) bedzie odbywacé
sie na drodze odttuszczania chemicznego,
elektrochemicznego i ultradzwiekowego. Ttuszcze i emulsje
stosowane podczas polerowania majg posta¢ ttuszczow
roslinnych i zwierzecych, a w zwigzku z tym podczas
odttuszczania zachodzity bedg standardowe procesy
zmydlania z powstaniem alkoholanéw. Ttuszcze mineralne ze
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wzgledu na charakter procesu galwanicznego (w tym
silikony), nie mogg by¢ stosowane, a w zwigzku z tym proces
neutralizacji nie bedzie wymagat dodatkowych operacji
usuwajacych te $rodki ze sciekdw, poza opisanymi we

whiosku;
—w celu wusuniecia soli siarczanowych ze S$ciekdw
galwanicznych bedg podjete nastepujace dziatania

zapobiegawcze:
- rozdzielanie S$ciekdw pod wzgledem
chemicznego
- stosowanie technik membranowych do oczyszczania
Sciekdw po wstepnej obrébce
- zastosowanie technologii odwréconej osmozy i wyparki w
celu zatezenia $ciekdw zawierajacych siarczany, po czym
przekazanie odpadu do neutralizacji w firmie zewnetrznej
— proces oczyszczania $ciekéw bedzie scisle monitorowany i
odbywat sie bedzie wg zoptymalizowanego procesu
oczyszczania celem osiggniecia wymaganych przepisami
prawa okreslonymi dla parametréw Sciekow
wprowadzanych do sSrodowiska

ich charakteru

Odpady

— Stosowanie zasad minimalizacji strat sktadnikéw kapieli
technologicznych do $ciekow i ilosci wytwarzanych odpadow

— Wiasciwie oddzielone i zidentyfikowane odpady moga by¢
wykorzystane przemystowo

— Referencyjna, wskaznikowa skutecznos$¢ wykorzystania
materiatéw w gtéwnych procesach obrébki powierzchniowej
metali

wszystkie procesy technologiczne odbywaé sie beda wg
Scisle okreslonych procedur, procesy technologiczne beda
podlega¢ nadzorowi przez przeszkolong osobe, ilos¢
zuzywanych substancji réwniez bedzie podlegac¢ statej
kontroli co zagwarantuje ich zuzycie na minimalnym
niezbednym poziomie, co bezposrednio wptynie na ilos¢
wytworzonych odpaddw;

wszystkie wytworzone odpady beda magazynowane
selektywnie, zas przekazywane beda do zagospodarowania
upowaznionym  podmiotom  posiadajgcym  stosowne
uprawnienia do gospodarowania odpadami, z zachowaniem
hierarchii postepowania z odpadami, czyli przekazywania
odpaddéw w pierwszej kolejnosci do odzysku

Emisje zanieczy

szczen lotnych

— Stosowanie zasad ograniczania i minimalizacji emisji
zanieczyszczen lotnych do powietrza, w szczegdlnosci emisji
z takich kapieli i operacji technologicznych, jak:
- roztwory kwasne,
- roztwory silnie alkaliczne,
- roztwory cyjankowe,
- roztwory chromu Cr(VI),
- roztwory zawierajace nikiel,
- rozpuszczalniki organiczne - zrédto LZO,
- polerowanie i inne operacje wytwarzajace pyly.
— Kapiele te i operacje wymagajg stosowania urzadzen
wyciggowych.

- powstajgce na linii galwanicznej zanieczyszczenia kwasne beda
kierowane do oczyszczenia w skruberze o skutecznosci
redukcji 99%. Natomiast w linii odciggania niklu i chromu
powstajgce zanieczyszczenia kwasne sg kierowane do skrubera
o skutecznosci redukcji na poziomie 86,2%

Hatas

— Zidentyfikowanie  znaczacych  Zrédet hatasu i ich
potencjalnego wptywu na najblizsze otoczenie zewnetrzne
instalacji.

—W razie potrzeby zastosowanie
ograniczenia hatasu, takich jak np.:

- zainstalowanie urzadzen ttumigcych
wentylatorow

- uzycie oston lub obuddw akustycznych urzadzen o wysokim
poziomie emitowanego hatasu

— Stosowanie w razie potrzeby innych metod ograniczania

technicznych metod

prace duzych

- w zaktadzie wszystkie Zrodta hatasu zostaty zidentyfikowane.
Nie przewiduje sie znaczacych Zrédet hatasu o szczegdlnie
istotnym wptywie na otoczenie zewnetrzne. Wptyw
zidentyfikowanych Zrddet zostat okreslony w drodze analizy
akustycznej. Nie stwierdzono przekroczen akustycznych
standardow srodowiska;

- analiza akustyczna nie wykazata potrzeby stosowania
dodatkowych indywidualnych rozwigzan minimalizujgcych
emisje takich jak przegrody i ekrany akustyczne. Praca w hali
bedzie odbywata sie przy zamknietych otworach zewnetrznych
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wptywu hatasu na otoczenie, jak np.:
stosowanie drzwi komorowych (bay door) do budynku
minimalizacja hatasu przy dostawie i odbiorze wyrobéw
ograniczenia czasu dostawy i odbioru wyrobdéw oraz
dostosowanie go do warunkoéw lokalnych

(drzwi i okna);

- silniki pojazdéw w czasie postoju i roztadunku bedg wytaczane.
W pozostatym czasie czas pracy silnikow i droga przejazdu
bedzie ograniczana do niezbednego minimum

Najwazniejsze wymagania BAT w zakresie monitoringu

Uwagi ogdlne
e Zakres prowadzonego monitoringu musi by¢ zgodny z wymaganiami obowigzujgcego ustawodawstwa oraz prawa lokalnego.

e Monitoringiem powinny by¢ objete:

- zuzycie wody, energii i surowcéw chemicznych,

- emisje do Srodowiska w zakresie parametrow odpowiadajgcych granicznym wielkosciom emisji lub parametréw proceséw

majacych bardzo istotny wptyw na wielkos$¢ emisji,
- procesy technologiczne instalacji,
- parametry techniczne instalacji i urzadzen towarzyszacych.

Zuzycie wody i surowcéw chemicznych

Monitoring ilosci zuzywanej wody bedzie obejmowaé pomiar
catkowitego zuzycia wody przez instalacje oraz obiekty z nig
wspotpracujgce. Urzadzenia do pomiaru beda podlegaé
okresowej legalizaciji.
Monitoring efektywnosci
realizowany poprzez:

- kontrole zuzycia energii cieplnej do celéw grzewczych i
technologicznych oraz ilosci zuzytych medidéw grzewczych

- kontrole catkowitego zuzycia energii, jezeli bedzie to mozliwe
w rozbiciu na zuzycie do zasilania instalacji oraz do zasilania
obiektow i procesdw z nig wspdtpracujgcych

Monitoring obejmowat bedzie zuzycia chemikaliow w
procesach technologicznych instalacji oraz zuzycia reagentow
chemicznych do oczyszczania $ciekdw i do redukcji emisji
zanieczyszczen do powietrza

wykorzystania energii bedzie

Emisje do §

rodowiska

Scieki

Monitoringiem bedzie objeta ilos¢ i jakos¢ sciekow:

- ilo$¢ Sciekéw bedzie okreslana z pomoca urzadzenia
pomiarowego podlegajgcemu okresowej legalizacji, na
podstawie zuzycia wody przez instalacje, zakres kontroli bedzie
obejmowat wszystkie substancje szkodliwe dla Srodowiska

- $cieki surowe bedg okresowo kontrolowane w celu okreslania
zapotrzebowania reagentéw chemicznych do oczyszczania
Sciekow

Emisja zanieczyszczen do powietrza

Monitoring bedzie realizowany poprzez
- kontrole sktadu kapieli
- kontrole ilosci stosowanego kwasu siarkowego

Odpady

Monitoring odpadéw bedzie realizowany poprzez:

- okresowe kontrole miejsc magazynowania odpadow

- okresowe kontrole zalecanej segregacji odpadow

- okresowe kontrole prowadzonej ewidencji odpaddw oraz
sposobu unieszkodliwiania/odzysku odpadéw

Emisje hatasu

Urzadzenia do elektrochemicznej lub chemicznej obrébki
metali zastosowane w przedmiotowym zaktadzie nie stanowig
zrédet ponadnormatywnej emisji hatasu do $rodowiska.
Monitoring hatasu bedzie realizowany poprzez wykonywanie:
- okresowych pomiaréw emisji hatasu na stanowiskach pracy
zgodnie z wymaganiami BHP,

- okresowych przegladdw urzadzen pracujgcych w instalacji

- pomiaréow hatasu emitowanego do srodowiska zgodnie z
metodykga referencyjna z czestotliwoscig raz na dwa lata przez
akredytowane laboratorium pomiarowe

Procesy technologiczne instalacji

Monitoring procesowy bedzie realizowany poprzez:
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- kontrole sktadu chemicznego kapieli technologicznych;

- kontrole zuzycia wody, energii i surowcow chemicznych w
procesach technologicznych instalacji oraz okresowe
poréwnanie wynikow kontroli z wartosciami wskaznikowymi;
- kontrole zuzycia reagentéw chemicznych do oczyszczania
Sciekdw i redukcji emisji zanieczyszczenn do powietrza oraz
okresowe porownanie wynikéw kontroli z wartosciami
wskaznikowymi;

- kontrole zgodnosci prowadzonych operacji z instrukcjami
technologicznymi;

- kontrole sprawnos$ci maszyn i urzadzen;

- kontrole operacji technologicznych w zakresie spetniania
wymagan prawa ochrony Srodowiska (segregacja odpadow,
eksploatacja urzadzen redukujgcych emisje zanieczyszczen do
powietrza itp.);

- kontrole stanowisk pracy w zakresie przestrzegania
przepisow BHP;

- kontrole zmian i modyfikacji operacji technologicznych oraz
nowych technologii w zakresie identyfikacji znaczacych
aspektéw srodowiskowych;

- kontrole sprzetu p.poz - zgodnie z wymaganiami
ustawodawstwa;

Parametry techniczne instalacji i urzadzen towarzyszacych

Monitoring parametréw technicznych instalacji bedzie
realizowany poprzez:

- kontrole sprawnosci urzadzen instalacji w trakcie regeneracji
kapieli lub wymiany kapieli technologicznych, facznie z
kontrolg szczelnosci wszystkich urzadzen zbiornikowych,
instalacji, pomp, filtréw, zaworoéw itp.;

- kontrole szczelnosci wszystkich urzadzen zbiornikowych do
neutralizacji $ciekdw (np. poprzez obserwacje i pomiar
poziomu cieczy w zbiornikach);

- kontrole szczelnosci mis bezodptywowych w miejscach
sktadowania odpadow niebezpiecznych oraz substancji
chemicznych (np. poprzez zalanie misy wodg, obserwacje i
pomiar cieczy w misach).

Inne zalecane zakresy monitoringu

Monitoring zmian przepiséw w zakresie ochrony srodowiska,
co gwarantuje mozliwosc¢ - szybkiego dostosowywania sie do
przepiséw prawa,

- monitoring terenu instalacji w trakcie jej postoju przez stuzby
dyzurne lub firmy zajmujgce sie ochrong obiektu

Stosowana technologia w instalacji objetej niniejszg decyzjg spetnia wymagania okreslone w art.

143 ustawy Prawo ochrony srodowiska tj.:

— stosowanie substancji o matym potencjale zagrozen — w instalacji nie beda magazynowane

substancje niebezpieczne w takiej ilosci, ktoérych znajdowanie sie w zaktadzie decyduja
o zaliczeniu go do zaktadu o zwiekszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku wystgpienia
powaznej awarii przemystowej. Ponadto na terenie instalacji substancje niebezpieczne sa
przechowywane w miejscu zabezpieczonym przed wptywem na srodowisko gruntowo-wodne
poprzez zastosowanie posadzki nieprzepuszczalnej i odpornej na przechowywane substancje.
Zastosowany jest system kanalizacji wychwytujacej wycieki na nowej hali galwanizerni oraz tac
i wanien wychwytowych pod liniami: galwanizowania i odciggania;

— efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii — instalacja nie bedzie stanowié instalacji

zwigzanej z wytwarzaniem energii elektrycznej. Hala produkcyjna bedzie zasilana w energie
elektryczng z sieci elektroenergetycznej. Zainstalowane urzadzenia charakteryzujg sie niskim
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zuzyciem energii. Ponadto w pomieszczeniach produkcyjnych, magazynowych i socjalno-
biurowych przewidziano zastosowanie energooszczednych zrédet swiatta;

— zapewnienie racjonalnego zuzycia wody i innych surowcéw oraz materiatdw i paliw —w zaktadzie
bedzie funkcjonowata zasada racjonalnego zuzycia wody i innych surowcéw oraz materiatéw
i paliw, w tym energii elektrycznej celem minimalizacji negatywnego wptywu na sSrodowisko;

— stosowanie technologii bezodpadowych i matoodpadowych oraz mozliwosé odzysku
powstajacych odpaddéw — funkcjonowanie instalacji prowadzi¢ bedzie w niewielkim stopniu do
wytwarzania odpadédw w tym takze odpaddw niebezpiecznych. Powstajace odpady bedg
poddawane segregacji oraz magazynowane w sposOb uniemozliwiajgcy wydostanie sie
substancji niebezpiecznych. Zgromadzone odpady przekazywane bedg uprawnionym
podmiotom do odzysku i /lub unieszkodliwienia. Podjete zostang réwniez dziatania majgce na
celu ograniczenie ilosci odpaddw poprzez racjonalng gospodarke surowcami wykorzystywanymi
do proceséw produkcyjnych;

— rodzaj, zasieg i wielko$¢ emisji - w wyniku wykonywanych proceséw technologicznych nastepuje
emisja odpadow. Odpady magazynowane sg w sposdb selektywny na terenie zaktadu, do
ktorego inwestor posiada tytut prawny. Ponadto instalacja bedzie Zrodtem emisji Sciekéw do
srodowiska oczyszczonych na zaktadowej oczyszczalni sciekdw przemystowych;

— wykorzystanie poréwnywalnych proceséw i metod, ktére zostaty skutecznie zastosowane
w skali przemystowej oraz postep naukowo-techniczny — technologia oraz zastosowane
urzadzenia stanowig typowa instalacje, wykorzystywang do tego typu dziatalnosci;

— postep naukowo-techniczny — instalacja stanowi¢ bedzie nowoczesng instalacje, w ktérej
procesy technologiczne prowadzone sg w specjalistycznych urzadzeniach. Zastosowana
technologia podlega ciagtej kontroli i udoskonalaniu. W przedmiotowe;j instalacji zapewniono
efektywne wykorzystanie energii oraz zuzycie wody i innych surowcdw oraz materiatéw i paliw,
ograniczono zasieg oraz wielkos$¢ emisji, a takze wykorzystano postep naukowo-techniczny.

W niniejszej decyzji majgc na wzgledzie wymadg art. 188 ust. 2 pkt 1 oraz art. 211 ust. 6 pkt 1
ustawy Prawo ochrony srodowiska okreslono rodzaj prowadzonej dziatalnosci, scharakteryzowano
rodzaj i parametry instalacji objetej wymogiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego oraz
pozostatych instalacji, istotnych z punktu widzenia przeciwdziatania zanieczyszczeniom.

Majac na uwadze szczegdlne wzgledy ochrony srodowiska, zgodnie z brzmieniem art. 188
ust. 3 pkt 4 ustawy Prawo ochrony Srodowiska, w pozwoleniu okreslono rodzaj i ilos¢
wykorzystywanej energii, materiatdw i surowcéw w instalacji wymagajacej uzyskania pozwolenia
zintegrowanego.

Zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 8 ustawy Prawo ochrony srodowiska, pozwolenie zintegrowane
okresla takze, w odniesieniu do instalacji wymagajacej pozwolenia zintegrowanego informacje o
ilosci wykorzystywanej wody oraz cele na jakie woda w instalacji jest wykorzystywana. Woda na
potrzeby przedmiotowej instalacji (wymagajacej pozwolenia zintegrowanego) pochodzi¢ bedzie z
zaktadowego ujecia wéd podziemnych. Warunki poboru wéd podziemnych zostaty uregulowane w
odrebnym pozwoleniu wodnoprawnym, bowiem woda z wiasnego ujecia wykorzystywana jest
rowniez na inne cele, m.in. takie jak: potrzeby technologiczne instalacji wymagajgcej pozwolenia
zintegrowanego i instalacji pozostatej, dla ktérych warunki okreslone sg w decyzji Marszatka
Wojewddztwa Opolskiego z dnia 6 maja 2009 r. nr DOS.I1I-AK-7636-32/08 oraz na potrzeby socjalne
zaktadu.

W pozwoleniu zobowigzano prowadzgcego do monitorowania ilosci wykorzystywanej wody
na potrzeby instalacji, tj. na potrzeby linii do pokrywania galwanicznego i na potrzeby linii
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zdejmowania wadliwych powtok. Okreslono czestotliwo$s¢ monitorowania zuzycia wody oraz
zobowigzano do prowadzenia rejestru ilosci wykorzystywanej wody.

W czesci dotyczacej powietrza atmosferycznego, analiza wniosku pozwolita stwierdzié, ze
zrédtem emisji zorganizowanej zanieczyszczen do powietrza z instalacji do chemicznego nanoszenia
powtoki niklowej i chromowej sg procesy technologiczne zwigzane z przygotowaniem powierzchni
oraz procesy powierzchniowej obrébki z wykorzystaniem proceséw chemicznych w wannach
procesowych.

Gtéwne emisje powstajg w wyniku eksploataciji:

— linii galwanicznej — procesy przygotowania powierzchni (trawienie, odttuszczanie chemiczne
i elektrochemiczne, usuwanie filmu zmydlonej pasty polerskiej, aktywacja),

— linii galwanicznej — procesy elektrochemiczne — naktadanie powtok metalicznych (niklowanie,
aktywacja, chromowanie, uszczelnianie),

— oczyszczalni Sciekdw technologicznych,

— linii do $Sciggania powtok Ni i Cr,

— procesy szlifowania i polerowania.

W linii galwanicznej proces technologiczny prowadzony jest w dwéch etapach:
— 1 etap - przygotowanie powierzchni,
— 2 etap - elektrochemiczne naktadanie powtok metalicznych.

Linia galwaniczna posiada wyciaggi wentylacyjne, ktére doprowadzajg zanieczyszczenia
kolektorem zbiorczym do urzadzenia redukujgcego emitowane zanieczyszczenia — skrubera
o skutecznosdci redukcji 99%. Nastepnie oczyszczone powietrze jest odprowadzane na zewnatrz
emitorem EGL-1.

Na liniido $ciggania chromu i niklu prowadzony jest proces zdejmowania powtok
chromowych i niklowych elementdéw, ktdre nie spetniaja wymogow jakosciowych w celu ich
ponownego zawrdcenia po oczyszczeniu do procesu nakfadania powtok. Opary kwasu siarkowego,
z procesu trawienia detali, odprowadzane s3 do skrubera o skutecznosci oczyszczania 86,2%.
Nastepnie oczyszczone powietrze jest odprowadzane na zewnatrz emitorem ESL-2.

Na potrzeby przedmiotowego wniosku przeprowadzone zostaty obliczenia
rozprzestrzeniania sie substancji w powietrzu. W ocenie wptywu instalacji na stan zanieczyszczenia
powietrza uwzglednione zostaty wszystkie Zrédta emisji zwigzane z eksploatacjg instalacji
znajdujgcych sie na terenie zaktadu. Analizg objeto substancje takie jak: pyt ogdétem, pyt zawieszony
PM10, pyt zawieszony PM2,5, dwutlenek azotu, tlenek wegla, amoniak, fenol, formaldehyd, kwas
siarkowy, kwas solny, cynk, miedz, otéw, chrom, nikiel, fluor, weglowodory aromatyczne,
weglowodory alifatyczne oraz alkohol furfurylowy. Obliczenia wykonano dla wariantu najbardziej
niekorzystnego dla srodowiska, tj. réwnoczesnej pracy obu galwanizerni (starej — eksploatowanej
w ramach instalacji do wytopu mosigdzu, nie wymagajacej pozwolenia zintegrowanego, gdyz
pojemnos¢ wanien nie przekracza 30 m3? oraz nowej galwanizerni o pojemnosci wanien
procesowych > 30 m3, ktérej dotyczy wniosek o wydanie pozwolenia).

Obliczenia wykazaty, ze emisja substancji wprowadzanych do powietrza z instalacji
znajdujgcych sie na terenie zaktadu nie spowoduje, poza granicami terenu, do ktérego prowadzacy
instalacje posiada tytut prawny, przekroczen stezent dopuszczalnych okreslonych w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektdrych substancji w
powietrzu (Dz.U. z 2021 r., poz. 845), ani przekroczen wartosci odniesienia, okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r., Nr 16, poz. 87).
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Majac na uwadze brzmienie art. 225 ustawy Pos, stanowigcym, ze: na obszarze, na ktérym
zostaty przekroczone standardy jakosci powietrza, wyznaczonym przez Gtéwnego Inspektora
Ochrony Srodowiska w rocznej ocenie jako$ci powietrza, wydanie pozwolenia na wprowadzanie
gazéw lub pytéw do powietrza dla nowo budowanej instalacji (lub zmienianej w istotny sposéb) jest
mozliwe, jezeli zostanie zapewniona odpowiednia redukcja ilosci tych substancji wprowadzanych
do powietrza z innych instalacji usytuowanych na obszarze gminy, w ktdrej planowana jest budowa
nowej instalacji lub dokonanie istotnej zmiany instalacji, Marszatek Wojewddztwa Opolskiego
przeanalizowat wyniki »Rocznej oceny jakosci powietrza
w wojewddztwie opolskim raport wojewddzki za rok 2021”, przeprowadzonej przez Gtéwnego
Inspektora Ochrony Srodowiska (na poziomie wojewddztwa przez Departament Monitoringu
Srodowiska Regionalnego Wydziatu Monitoringu Srodowiska w Opolu), z ktérej wynika, ze
przedmiotowa instalacja nie lezy na obszarach przekroczen zanieczyszczen do powietrza.

Whioskodawca, do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego przedtozyt pismo
Gtéwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska nr DMS-OP.731.1.261.2022 z 27 pazdziernika 2022 r.,
informujgce, ze w miejscowosci Olesno, w rejonie ul. Lesnej (na terenie dziatek 530, 529, 526, 525,
522, 510 oraz 509 na ktérych zlokalizowana jest przedmiotowa instalacja) nie wystapity
przekroczenia pytu zawieszonego PM10 (24-godz., rok) oraz pytu zawieszonego PM2,5 (rok).

Majagc na uwadze powyisze Marszatek Wojewddztwa Opolskiego odstgpit od
przeprowadzenia postepowania kompensacyjnego dla przedmiotowe;j instalacji, z uwagi na fakt, ze
art. 225 ustawy Prawo ochrony srodowiska nie bedzie miat zastosowania.

Wielkos¢ emisji dopuszczalnej dla poszczegdlnych emitoréw oraz dopuszczalna emisja
roczna zostata okreslona, zgodnie z wnioskiem strony. W wyniku stosowania nowych preparatéw
w nowej galwanizerni, nastepowata bedzie emisja fluoru oraz niklu, nie bedzie natomiast emisji
amoniaku i pytu.

Biorac powyisze pod uwage, organ w punkcie I1.1.1. pozwolenia pn. ,Zrédfa powstawania
i miejsca wprowadzania gazow i pytow do powietrza, ich charakterystyka oraz czas eksploatacji
zrédet emisji” przedstawit charakterystyke techniczng zrédet powstawania i miejsc emis;ji instalacji
wymagajgcej uzyskania pozwolenia zintegrowanego, tj. parametry emitora EGL-1 (nalezgcego do
linii galwanicznej) i ESL-2 (nalezgcego do nowej linii odciggania niklu i chromu). Natomiast punkcie
11.1.2. pozwolenia pn. ,Wielko$¢ dopuszczalnej emisji w warunkach normalnego funkcjonowania
instalacji”, ustalit dopuszczalne wielkos$ci emisji rocznej z przedmiotowej instalacji.

W $wietle obowigzujacych przepiséw, tj. rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia
7 wrzesnia 2021 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow wielkosci emisji (Dz. U.
22021 r., poz. 1710), przedmiotowa instalacja nie podlega obowigzkowi wykonywania okresowych
pomiaréw emisji do powietrza, jednakze celem stworzenia mozliwosci kontrolowania pomiarami,
czy ustalone w pozwoleniu zintegrowanym wielkos$ci dopuszczalne sg dotrzymywane, organ w
punkcie VIII.2 pozwolenia pn.: ,,Monitoring emisji do powietrza” okreslit stanowiska pomiarowe do
pomiaru wielkosci emisji w zakresie gazéw i pytéw do powietrza, zgodnie z art. 211 ust. 1 i art. 224
ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska.

Zgodnie z przepisami art. 147 ust. 4 i 5 ustawy Prawo ochrony srodowiska, prowadzgcy
instalacje nowg oraz zmieniong w sposodb istotny, z ktdrej emisja wymaga pozwolenia, jest
zobowigzany do przeprowadzenia wstepnych pomiaréw wielkosci emisji z tej instalacji najpdzniej
w terminie 14 dni od dnia zakorfczenia rozruchu instalacji.

W przypadku prowadzenia pomiarow wstepnych emisji do powietrza z instalacji nowej oraz
istotnie zmienionej, obowigzek prowadzenia pomiaréw wynika z przepisu art. 147 ust. 4 ustawy
Prawo ochrony srodowiska, natomiast obowigzek przekazywania wynikow tych pomiardw,
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organowi ochrony S$rodowiska i wojewddzkiemu inspektorowi ochrony srodowiska wynika
z przepisu art. 149 ust. 1 Prawo ochrony srodowiska.

W przedtozonej dokumentacji wnioskodawca dokonat inwentaryzacji wszystkich Zrodet
hatasu eksploatowanych na terenie zakfadu, w tym Zrédet spoza instalacji objetej niniejszym
pozwoleniem, okredlit ich moce akustyczne oraz czas pracy w ciggu doby z podziatem na pore dnia
i nocy. Na podstawie zgromadzonych danych zostaty wykonane obliczenia rozprzestrzeniania sie
hatasu w srodowisku. Z przedtozonych oblicze wynikato, ze oddziatywanie Zaktadu nie spowoduje
przekroczenia dopuszczalnych poziomdéw hatasu na najblizszych terenach chronionych potozonych
w sgsiedztwie zaktadu.

Tereny objete ochrong przed hatasem wyznaczono na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwatg Nr XXVII/196/16 Rady Miejskiej
w Olesnie z dnia 28 wrzes$nia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w Olesnie w rejonie ulic: Le$nej, Rolniczej, Targowej, Sienkiewicza, Gorzowskiej
i Sosnowej (Dz. Urz. Wojewddztwa Opolskiego z 2016 r. poz. 2143).

W zwigzku z tym, zgodnie z przepisami art. 211 ust. 6 ustawy Pos, organ w tabeli nr 8 ustalit
dopuszczalne poziomy hatasu poza zaktadem, wyrazone wskaznikami Laegp i Laeqn W Odniesieniu do
rodzajéw terendw, o ktérych mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy Pos.

Organ, dziatajgc zgodnie z wnioskiem strony, w tabeli nr 7 pozwolenia okreslit rozktad czasu
pracy zrédet hatasu z wyszczegdlnieniem pory dnia (6:00-22:00) i pory nocy (22:00-6:00).

W niniejszym pozwoleniu okreslono rozwigzania techniczne i organizacyjne zapewniajgce
zapobieganie i ograniczanie emisji hatasu do sSrodowiska.

Zaktad objety jest, wynikajacym z przepiséw rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska
z dnia 7 wrzesnia 2021 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji
(Dz. U.z 2021 r. poz. 1710), obowigzkiem prowadzenia pomiaréw poziomu hatasu, ktére winien
wykonywaé z czestotliwoscig raz na dwa lata. Prowadzacy instalacje jest zobowigzany do
prowadzenia pomiaréw hatasu w srodowisku na najblizej potozonych terenach objetych ochrong,
zgodnie z metodyka referencyjng ustalong w ww. rozporzadzeniu Ministra Klimatu i Srodowiska.
Wyniki pomiaréw hatasu w $rodowisku prowadzacy instalacje przedstawia organowi ochrony
Srodowiska oraz wojewddzkiemu inspektorowi ochrony srodowiska zgodnie z art. 149 ustawy Pos.

Przedstawione w przedtozonej organowi dokumentacji rodzaje odpaddéw przewidzianych
do wytworzenia, zostaty sklasyfikowane zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 2
stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. z 2020 r. poz. 10).

Majac na wzgledzie art. 188 ust. 2b ustawy Pos, w pozwoleniu scharakteryzowano
powstajace odpady, podajac ich podstawowy sktad chemiczny, wtasciwosci oraz okreslono ich ilos¢
mozliwg do wytworzenia w ciggu roku, a takze okreslono dopuszczalne sposoby gospodarowania
wytworzonymi odpadami. W niniejszej decyzji uwzgledniono rowniez sposoby zapobiegania
powstawaniu odpadéw lub ograniczania ilosci odpaddw i ich negatywnego oddziatywania na
Srodowisko oraz wyznaczono bezpieczne miejsca i sposoby ich magazynowania. Okreslono réwniez
numer identyfikacji podatkowe] (NIP) oraz numer regon posiadacza odpadow.

Wiasciwosci odpaddw niebezpiecznych zostaty okreslone zgodnie z rozporzgdzeniem
Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastepujacym zatgcznik Il do dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpaddow oraz uchylajgcym niektére
dyrektywy (Dz. U. WE L.365/89).

Zaproponowany we wniosku sposdb postepowania z wytwarzanymi odpadami uznano za
prawidtowy z punktu widzenia ochrony srodowiska. W ramach monitoringu ilosci odpadéw
uprawniony bedzie okreslat ich ilos¢ wagowo.
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Zgodnie z dyspozycjg zawartg w art. 188 ust. 2b pkt 8 ustawy Po$ w niniejszej decyzji
okreslono warunki ochrony przeciwpozarowej wynikajgce z operatu przeciwpozarowego, w ktérym
ujeto miejsca magazynowania odpaddéw znajdujacych sie na terenie Oras Olesno Sp. z 0.0. w Olesnie
oraz okreslono warunki ochrony przeciwpozarowej wynikajgce z operatu przeciwpozarowego
wykonanego w pazdzierniku 2021 r. przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Pana
mgr inz. Piotra Swiercza.

W wyniku prowadzonych proceséw technologicznych powstajg scieki przemystowe, ktore
po oczyszczeniu w zaktadowej oczyszczalni Sciekdw odprowadzane sg do Srodowiska — do ziemi —
Kanatu Mtyndwki. Wobec czego, majac na wzgledzie przepis art. 202 ust. 1 ustawy Prawo ochrony
Srodowiska, w pozwoleniu zintegrowanym ustalono warunki emisji na zasadach okreslonych dla
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie $ciekéw do wdd lub do ziemi, o ktérym mowa
w ustawie Prawo wodne.

W zwigzku z powyzszym w decyzji okreslono ilo$¢ oraz stan i sktad $ciekdw, ktére mogg by¢
wprowadzane do ziemi, po ich uprzednim oczyszczeniu na mechaniczno-chemicznej oczyszczalni
Sciekdw. Ustalajgc wartosci dopuszczalne dla odprowadzanych $ciekdw organ wzigt pod uwage
tre$¢ wniosku oraz przepisy rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z
dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy
odprowadzaniu woéd opadowych i roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1311). Zaproponowane przez Strone parametry odprowadzanych $ciekdow przemystowych do
Srodowiska nie przekraczajg wartosci okreslonych w ww. rozporzadzeniu.

W pozwoleniu okreslono takze:

— ilo$¢ maksymalng wyrazong w m3 na sekunde, $rednig ilo$¢ - w m3 na dobe oraz dopuszczalng
ilo$¢ - w m3rok,

— opisano urzadzenie wodne — wylot sciekdw do ziemi — Kanatu Mtyndwki, w tym, podstawowe
parametry charakteryzujace to urzadzenie, i warunki jego wykonania oraz jego lokalizacje za
pomocg informacji o nazwie lub numerze obrebu ewidencyjnego z numerem lub numerami
dziatek ewidencyjnych oraz wspoétrzednych (zgodnie z art. 16 pkt 71 ustawy Prawo wodne w
geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000),

— sposob postepowania w przypadku uszkodzenia urzgdzenia pomiarowego do okreslania ilosci
Sciekdw wprowadzanych do ziemi,

— miejsce poboru prébek Sciekdw.

Uwzgledniajgc przepisy art. 188 ust. 3 ustawy Pos, jak réwniez przepisy art. 403 ustawy

Prawo wodne, w punkcie VIII.5. pozwolenia, organ natozyt na uprawnionego obowigzki zwigzane z

monitoringiem $ciekdéw wprowadzanych do $rodowiska. Jako punkt kontrolny, w ktérym beda

pobierane prébki do badan jakosciowych sciekdw ustalono studzienke potozong na wyjsciu sciekéw

z hali produkcyjnej galwanizerni. Okreslajac czestotliwos¢ monitorowania, zobowigzano Spotke w

okresie pierwszego roku funkcjonowania instalacji do prowadzenia badan jakosci odprowadzanych

oczyszczonych Sciekdw do Srodowiska z czestotliwos$cig raz w miesigcu. Po tym okresie badania
jakosci odprowadzanych sciekdw mozna bedzie wykonywaé z czestotliwoscig co najmniej raz na
dwa miesigce.

Okreslajgc powyzsze organ wzigt pod uwage fakt, ze oczyszczalnia Sciekow jest nowym
urzadzeniem, i brak jest w dacie orzekana wynikéw badan —dowodéw potwierdzajgcych efekt pracy
oczyszczalni w normalnych warunkach pracy instalacji.

Niniejszg decyzjg zobowigzano Spotke do monitorowania ilosci odprowadzanych sciekéw
do srodowiska. Wskazano za pomocg jakiego urzadzenia nalezy monitowac ilos¢ odprowadzanych
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Sciekdw oraz z jaka czestotliwoscig. Uprawnionego zobowigzano takze do prowadzenia rejestru
ilosci, stanu i sktadu odprowadzanych sciekéw.

W pozwoleniu, przychylajac sie do wniosku Strony, organ zobowigzat prowadzacego
instalacje do utrzymywania we wifasciwym stanie wylotu kanalizacji przemystowej oraz koryta
odbiornika na dtugosci 30 m ponizej wylotu oraz do prowadzenia prawidtowej eksploatacji i
przegladu urzadzen oczyszczajacych Scieki. Naktadajgc powyzszy obowigzek, organ uznat go w petni
za zasadny z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia odpowiedniej przepustowosci odbiornika
oczyszczonych $ciekdw oraz z uwagi na koniecznos¢ ograniczenia negatywnego oddziatywania na
Srodowisko odprowadzanych oczyszczonych Sciekdw przemystowych.

Organ w decyzji okredlit takze sposdb postepowania w przypadku zaistnienia awarii
urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia oraz sposdb postepowania w przypadku uszkodzenia
urzadzenia pomiarowego, stuzgcego do okreslania ilosci odprowadzanych sciekow, zgodnie z art.
403 ust. 2 pkt 14 i pkt 15 ustawy Prawo wodbne.

Z analizy przedtozonego wniosku wynika, ze powstajgce scieki przemystowe sg oczyszczane
w zaktadowej fizyko-chemicznej oczyszczalni $ciekéw, zlokalizowanej w hali galwanizerni. Po
oczyszczeniu Scieki sg kierowane do zaktadowej sieci ogdlnosptawnej i istniejgcym wylotem s3
odprowadzane do srodowiska. Natomiast wody opadowe i roztopowe, zebrane z dachdw i drég
utwardzonych potudniowej i wschodniej czesci zaktadu o szczelnej powierzchni, po przejsciu przez
separator substancji ropopochodnych oraz osadnik zawiesiny mineralnej tgczy¢ sie bedg z
oczyszczonymi Sciekami technologicznymi i odprowadzane bedg za pomocg sieci kanalizacji
ogolnosptawnej istniejgcym wylotem do ziemi. Zatem w niniejszym przypadku odprowadzane $cieki
przemystowe oraz wody opadowe i roztopowe, ktdrych potgczenie nastepuje po ich oczyszczeniu,
w ocenie organu stanowi dwie odrebne ustugi wodne, zgodnie z art. 35 ustawy Prawo wodne.

Okreslajgc warunki wprowadzania wytgcznie oczyszczonych Sciekéow przemystowych do
ziemi organ kierowat sie przepisami ustawy Prawo wodne. Zgodnie z obowigzujgcymi na dzien
wydania niniejszej decyzji przepisami ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z pdzn. zm.)
— w art. 35 ustawodawca rozrdznit jako odrebne rodzaje wprowadzania S$ciekow tj.: 1.
wprowadzanie $ciekéw do wéd lub do ziemi, obejmujace takze wprowadzanie Sciekéw do urzadzen
wodnych (art. 35 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo wodne) oraz 2. odprowadzanie do wdd lub do urzadzen
wodnych - wdd opadowych i roztopowych, ujetych w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji
deszczowej stuzgce do odprowadzania opaddw atmosferycznych albo w systemy kanalizacji
zbiorczej w granicach administracyjnych miast (art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy Prawo wodne).

......

wodne, zgodnie z ktérg wody opadowe i roztopowe to wody bedgce skutkiem opadéw
atmosferycznych, ktére nie mieszczg sie w ustawowym katalogu Sciekdéw. Obecnie wody opadowe
i roztopowe stanowia odrebng kategorie nieczystosci, ktéra nie zostata objeta regulacjami ustawy
Prawo ochrony srodowiska.

Dodatkowo w toku prowadzonego postepowania Wnioskodawca w piSmie z 6 marca
2023 r. bez numeru zwrécit sie do organu o nie ujmowanie niniejszg decyzjg warunkéw
wprowadzania do srodowiska wod opadowych i roztopowych.

W zwigzku z powyzszym, zgodnie z art. 202 ust. 1 ustawy Prawo ochrony srodowiska, w
pozwoleniu okreslono wytacznie warunki dla wprowadzania do ziemi oczyszczonych $ciekéw
przemystowych — technologicznych powstajacych w wyniku eksploatacji instalacji. W ocenie
Marszatka Wojewddztwa Opolskiego w odrebnym rozstrzygnieciu wydanym przez wtasciwy organ
Wdd Polskich nalezy uregulowaé kwestie odprowadzania wéd opadowych i roztopowych do
urzadzen wodnych, tj. do ziemi.

53



Prowadzacy instalacje objety jest, wynikajgcym z art. 304 ustawy Prawo wodne (Dz. U.
22022 r. poz. 2625 z pdin. zm.), obowigzkiem przekazywania wynikow prowadzonych pomiaréw
ilosci i jakosci $ciekdw wprowadzanych do ziemi w zakresie okreslonym w niniejszym pozwoleniu,
do organu wtasciwego do wydania pozwolenia zintegrowanego w terminie do dnia 1 marca kazdego
roku za rok poprzedni oraz do wtaéciwego organu Inspekcji Ochrony Srodowiska.

W pozwoleniu ustalono, zgodnie z wnioskiem strony, ze instalacja nie bedzie pracowata
w warunkach odbiegajgcych od normalnych.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony $rodowiska w pozwoleniu zintegrowanym
okreslono stosowane w trakcie eksploatacji instalacji dziatania i srodki techniczne majace na celu
ograniczenie emisji substancji i energii, w celu osiggniecia wysokiego poziomu ochrony srodowiska
jako catosci oraz sposoby ograniczania oddziatywan transgranicznych, jak réwniez ustalono sposoby
zapewnienia efektywnego wykorzystania energii elektrycznej.

W pozwoleniu okreslono, zgodnie z brzmieniem art. 211 ust. 6 pkt 3 ustawy Prawo ochrony
Srodowiska wymagania zapewniajgce ochrone gleby, ziemi i wéd gruntowych, w tym srodki majgce
na celu zapobieganie emisji do gleby, ziemi i wéd gruntowych oraz sposéb ich systematycznego
nadzorowania.

Odnoszac sie do brzmienia art. 211 ust. 6 pkt 4 ustawy Po$ w pozwoleniu nie okreslono
sposobu systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby i ziemi substancjami powodujgcymi
ryzyko oraz sposobu i czestotliwosci wykonywania badan zanieczyszczenia gleby i ziemi
substancjami oraz pomiarow zawartosci tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania
probek, bowiem w analizie przedtozonej wraz z wnioskiem wykazano brak koniecznosci
sporzadzenia raportu poczatkowego o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wéd gruntowych
substancjami powodujgcymi ryzyko co organ przyjat w niniejszym postepowaniu.

Majac na wzgledzie art. 211 ust. 6 pkt 12 ustawy Prawo ochrony srodowiska w pozwoleniu
okreslono takze zakres isposdéb monitorowania procesow technologicznych, w tym pomiaru
i ewidencjonowania wielkos$ci emisji, w zakresie w jakim wykraczajg poza wymagania ustawowe
w celu sprawdzenia zgodnosci rzeczywistych warunkéw eksploatacji z warunkami okreslonymi
w pozwoleniu. Majac powyzsze na uwadze w pozwoleniu wskazano takze termin przekazywania
tych danych Marszatkowi Wojewddztwa Opolskiego i Opolskiemu Wojewddzkiemu Inspektorowi
Ochrony Srodowiska w Opolu.

Organ w pozwoleniu okreslit ogdlne sposoby postepowania w przypadku zakorczenia
eksploatacji instalacji, w tym sposoby usuniecia negatywnych skutkéw powstatych w srodowisku.

Na podstawie informacji zawartych w dokumentacji dotgczonej do wniosku, Zaktad na terenie
ktérego zlokalizowana jest instalacja, bedaca przedmiotem niniejszego pozwolenia, nie zalicza sie
do zaktaddéw o zwiekszonym (ZZR) ani do zaktadédw o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii
przemystowej (ZDR) w $wietle obecnie obowigzujgcego rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 29
stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujgcych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych,
decydujgcych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia
powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138), stad zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 9 ustawy
Prawo ochrony srodowiska okreslono w niniejszej decyzji sposoby zapobiegania wystepowaniu i
ograniczania skutkédw awarii oraz wymdg informowania o wystgpieniu awarii.

Prowadzacy instalacje okreslit we wniosku termin od kiedy planowana bedzie eksploatacja
instalacji na 1 stycznia 2023 r. Majgc na wzgledzie fakt, ze niniejsza decyzja jest wydana po tym
terminie, w decyzji nie okreslono konkretnej daty od ktérej mozliwa jest eksploatacja — za ten
termin nalezy uzna¢ date wydania niniejszej decyzji. W zwigzku z powyzszym nie okreslono
w pozwoleniu odrebnego terminu, od ktérego jest dopuszczalna emisja ze zrédet i emitorow.
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Bioragc pod uwage przepisy art. 186 ust. 8-10 ustawy Prawo ochrony srodowiska organ
stwierdzit, ze nie zaszta zadna z wymienionych przestanek do odmowy wydania przedmiotowej
decyzji, bowiem prowadzacy instalacje nie zostat skazany prawomocnym wyrokiem sadu za
przestepstwa przeciwko srodowisku (biorgc pod uwage zaswiadczenia o niekaralnosci bedace w
posiadaniu organu), ani nie zostat skazany prawomocnym wyrokiem sadu za przestepstwa
wskazane w art. 163, art. 164 lub art. 168 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z
2022 ., poz. 1138 z pdzn. zm.).

Termin obowigzywania pozwolenia ustalono, zgodnie z brzmieniem art. 188 ust. 1 ustawy
Prawo ochrony srodowiska i wnioskiem - na czas nieoznaczony.

Zgodnie z trescig art. 214 ustawy Prawo ochrony srodowiska, przed dokonaniem zmian
w instalacjach objetych pozwoleniem zintegrowanym, polegajgcych na zmianie funkcjonowania
instalacji, prowadzacy instalacje jest obowigzany poinformowaé o planowanych zmianach
Marszatka Wojewddztwa Opolskiego.

Zgodnie z brzmieniem art. 215 ustawy Prawo ochrony srodowiska, analiza niniejszego
pozwolenia bedzie wykonywana po publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej decyzji
wykonaweczej ustanawiajgcej konkluzje BAT dla tej branzy, a takze na podstawie przepisu art. 216
ww. ustawy z czestotliwoscig raz na 5 lat lub jezeli oddziatywanie instalacji na $rodowisko
zmienitoby sie w stopniu wskazujgcym na koniecznos$¢ zmiany pozwolenia zintegrowanego, lub jesli
nastgpi zmiana w najlepszych dostepnych technikach, badz przepisach o ochronie srodowiska.

Za wydanie niniejszej decyzji uiszczono opfate skarbowg zgodnie z pozycjg 111.40 pkt 1
zatgcznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z
pdzn. zm.) w wysokosci okreslonej od wydania pozwolenia zintegrowanego, tj. 506,00 zt (stownie:
piec¢set szes¢ ztotych). Wptaty dokonano w dniu 9 lutego 2022 r., przelewem na konto Urzedu
Miasta Opola, Bank Millennium S.A. nr 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249.

Uwzgledniajgc powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Ministra Klimatu i Srodowiska, za posrednictwem
Marszatka Wojewddztwa Opolskiego, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego w trakcie biegu terminu
do whniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec Marszatka
Wojewddztwa Opolskiego, ktdry wydat niniejszg decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Z upowaznienia
Marszatka Wojewddztwa Opolskiego
Dyrektor Departamentu Ochrony Srodowiska

Manfred Grabelus
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Otrzymuija:
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

1. Pan Marek Benedykcinski — petnomocnik Oras Olesno Sp. z 0.0.
EKO-PROJEKT Sp. z 0.0. S.k.
ul. Marcelinska 90 lokal 6A, bud. PGK 1
60-324 Poznan

2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (ePUAP)
RZGW w Gliwicach
ul. Sienkiewicza 2
44-100 Gliwice

3. aa
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